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(57)【要約】
【課題】表面改質剤を提供すること。
【解決手段】
本発明は、ａ）酸化、熱又は光誘導劣化を受けやすい有
機物質、及び
ｂ）少なくとも一種の、式Ｉ
【化１】

で表される化合物の溶融添加剤を含む組成物を記述する
。
　式Ｉで表される化合物は、有機物質のための表面エネ
ルギー減少剤として、例えば有機物質の撥水性及び撥油
性を高めるために有用である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）酸化、熱又は光誘導劣化を受けやすい有機物質、及び
ｂ）少なくとも一種の、下記式Ｉで表される化合物：
【化１】

［式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ないし
２５のアルキル基、炭素原子数１ないし２５のアルコキシ基、炭素原子数７ないし９のフ
ェニルアルキル基、フェニル基、

【化２】

－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2又はＲ2とＲ3の各対は、結合する炭素原子と一緒
になって
【化３】

を形成し；
そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は水素原子を表し；及び但し、
Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6はフッ素原子含有基又は炭素原子数１ないし２５のアルキル基を表し；但し式Ｉで表
される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6はフッ素原子含有基を表す。）
を含有し、
Ｘは、
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【化４】

を表し、
Ｙは、直接結合、メチレン基、－ＣＨ（ＣＨ3）－又は－Ｃ（ＣＨ3）2－を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし１８のアルキル基を表し；但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及
びＲ5が水素原子を表す場合、Ｒ3は－Ｘ－Ｒ6を表し、Ｘは

【化５】

（式中、カルボニル基はベンゼン環に結合する。）を表し、及びＲ6は－ＣＨ2ＣＨ2（Ｃ
Ｆ2）7ＣＦ3を表す。] の溶融添加剤を含む組成物であって、成分（ａ）はフッ素原子含
有ポリマーではないところの組成物。
【請求項２】
前記式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ない
し１８のアルキル基、炭素原子数１ないし１８のアルコキシ基、ベンジル基、フェニル基
、－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2又はＲ2とＲ3の各対は、結合する炭素原子と一
緒になってベンゼン環を形成し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の
基は水素原子を表し；及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子
を表さず；
Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し前記式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、
Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有し、
Ｘは、
【化６】

を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし８のアルキル基を表す、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
前記式中、Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし
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１８のアルキル基を表し；但し、前記式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ

6基（式中、Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有する、
請求項１記載の組成物。
【請求項４】
前記式中、Ｘは
【化７】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表す、請求項１記載の組成物。
【請求項５】
前記式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ない
し８のアルキル基、炭素原子数４ないし１８のアルコキシ基、フェニル基、－Ｘ－Ｒ6を
表し、又は置換基Ｒ1とＲ2の対は、結合する炭素原子と一緒になってベンゼン環を形成し
；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は水素原子を表し；及び但し
、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6は
炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有し；
Ｘは、

【化８】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし８のアルキル基を表す、請求項１記載の組成物。
【請求項６】
前記式中、Ｒ1は水素原子又は炭素原子数１ないし４のアルキル基を表し、
Ｒ2は水素原子、炭素原子数１ないし４のアルキル基、－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1

とＲ2の対は、結合する炭素原子と一緒になってベンゼン環を形成し、
Ｒ3は水素原子、炭素原子数１ないし４のアルキル基、フェニル基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ4は水素原子、炭素原子数１ないし４のアルキル基、炭素原子数４ないし１８のアルコ
キシ基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ5は水素原子又は－Ｘ－Ｒ6を表し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２
個の基が水素原子を表し；及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基が水素
原子を表さず；
Ｒ6は炭素原子数４ないし１８のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し、式Ｉで表される化合物が少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6

は炭素原子数４ないし１８のフルオロアルキル基を表す。）を含有し；及び
Ｘは
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【化９】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表す、請求項１記載の組成物。
【請求項７】
前記式中、Ｒ1は水素原子を表し、
Ｒ2は水素原子、－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2の対は、結合する炭素原子と一緒
になってベンゼン環を形成し、
Ｒ3は水素原子、フェニル基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ4は水素原子、炭素原子数４ないし１８のアルコキシ基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ5は水素原子又は－Ｘ－Ｒ6を表し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２
個の基が水素原子を表し；及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基が水素
原子を表さず；
Ｒ6は－ＣＨ2ＣＨ2（ＣＦ2）7ＣＦ3又は炭素原子数１ないし１８のアルキル基を表し；但
し、式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6は－ＣＨ2ＣＨ2（
ＣＦ2）7ＣＦ3を表す。）を含有し；及び
Ｘは

【化１０】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表す、請求項１記載の組成物。
【請求項８】
前記成分（ａ）が、天然、半合成又は合成ポリマーである、請求項１記載の組成物。
【請求項９】
前記成分（ａ）が合成ポリマーである、請求項１記載の組成物。
【請求項１０】
前記成分（ｂ）は、前記成分（ａ）の質量に基づき０．０１ないし１０％の量で存在する
、請求項１記載の組成物。
【請求項１１】
成分（ａ）及び成分（ｂ）以外に、加えて更なる添加剤を含む、請求項１記載の組成物。
【請求項１２】
更なる添加剤として、フェノール系酸化防止剤、光安定剤及び／又は加工安定剤を含む、
請求項１１記載の組成物。
【請求項１３】
下記式Ｉで表される化合物：
【化１１】
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［式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ないし
２５のアルキル基、炭素原子数１ないし２５のアルコキシ基、炭素原子数７ないし９のフ
ェニルアルキル基、フェニル基、
【化１２】

－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2又はＲ2とＲ3の各対は、結合する炭素原子と一緒
になって
【化１３】

を形成し；
そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は水素原子を表し；及び但し、
Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6はフッ素原子含有基又は炭素原子数１ないし２５のアルキル基を表し；但し式Ｉで表
される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6はフッ素原子含有基を表す。）
を含有し、
Ｘは、
【化１４】

を表し、
Ｙは、直接結合、メチレン基、－ＣＨ（ＣＨ3）－又は－Ｃ（ＣＨ3）2－を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし１８のアルキル基を表す。]であるが、但し、Ｒ1

、Ｒ2、Ｒ4及びＲ5が水素原子を表す場合、Ｒ3は－Ｘ－Ｒ6を表し、Ｘは
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【化１５】

（式中、カルボニル基はベンゼン環に結合する。）を表し、及びＲ6は－ＣＨ2ＣＨ2（Ｃ
Ｆ2）7ＣＦ3を表す式Ｉで表される化合物は除かれる化合物。
【請求項１４】
前記式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ない
し８のアルキル基、炭素原子数４ないし１８のアコキシ基、フェニル基、－Ｘ－Ｒ6を表
し、又は置換基Ｒ1とＲ2の対は、結合する炭素原子と一緒になってベンゼン環を形成し；
そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は水素原子を表し；及び但し、
Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し、式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6

は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有し；
Ｘは、

【化１６】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし８のアルキル基を表す、請求項１３に記載の化合
物。
【請求項１５】
請求項１に記載の少なくとも１種の成分（ｂ）を有機物質に配合することを含む有機物質
の表面エネルギーを減少する方法。
【請求項１６】
有機物質の表面エネルギー減少剤としての請求項１記載の成分（ｂ）の使用。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化、熱又は光誘導劣化を受けやすい有機物質、好ましくは合成ポリマーを
含む組成物、及びそれら物質の表面エネルギー減少剤としての、例えば有機物質のための
撥油剤及び撥水剤としてのペルフルオロ化アルコールのエステル、アミド又はウレタンに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　撥油性及び撥水性を与えるための例えば生地、カーペット、紙、革及び不織ウェブのよ
うな繊維及び繊維基材での様々なフルオロケミカル組成物の使用は、例えば特許文献１で
知られる。この参考文献は、合成有機ポリマーを含む疎水性及び親油性の繊維、フィルム
及び成形品であって、フルオロケミカル化合物が該繊維、織物又は成形品の内部に分散し
、そして該繊維、織物品及び成形品の表面に存在するものを開示する。
　特許文献２（Ｃ．Ａ．２０００：１９８２１６）は、フッ素原子含有ポリマー及びポリ
フルオロアルコールと重合可能な不飽和基を含有しないカルボン酸から得られるエステル
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含む組成物を開示する。
　特許文献３及び４は、望ましいポリマーとフルオロケミカルの溶融押出しによって調製
されるポリマーの全体にわたり分散されたフルオロケミカルを有する、永久防汚性ポリマ
ー組成物を開示する。フルオロケミカルとの溶融押出しのために好ましいポリマーは、ポ
リエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリアミドである。
【特許文献１】米国特許第６，１２７，４８５号明細書
【特許文献２】特開２０００－０８７０１４号公報
【特許文献３】国際公開第９２／１８５６９号パンフレット
【特許文献４】国際公開第９５／０１３９６号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ペルフルオロ化アルコールのエステル、アミド又はウレタンは、例えば合成ポリマーの
ような有機ポリマーの例えば撥油性及び撥水性を増加するためなど様々な技術的用途に有
用であることが今や見出された。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
従って、本発明は
ａ）酸化、熱又は光誘導劣化を受けやすい有機物質、及び
ｂ）少なくとも一種の、下記式Ｉで表される化合物：
【化１】

［式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ないし
２５のアルキル基、炭素原子数１ないし２５のアルコキシ基、炭素原子数７ないし９のフ
ェニルアルキル基、フェニル基、
【化２】

－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2又はＲ2とＲ3の各対は、結合する炭素原子と一緒
になって
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【化３】

を形成し；
そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は水素原子を表し；及び但し、
Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6はフッ素原子含有基又は炭素原子数１ないし２５のアルキル基を表し；但し式Ｉで表
される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6はフッ素原子含有基を表す。）
を含有し、
Ｘは、
【化４】

を表し、
Ｙは、直接結合、メチレン基、－ＣＨ（ＣＨ3）－又は－Ｃ（ＣＨ3）2－を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし１８のアルキル基を表し；但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及
びＲ5が水素原子を表す場合、Ｒ3は－Ｘ－Ｒ6を表し、Ｘは
【化５】

（式中、カルボニル基はベンゼン環に結合する。）を表し、及びＲ6は－ＣＨ2ＣＨ2（Ｃ
Ｆ2）7ＣＦ3を表す。］の溶融添加剤を含む組成物であって、成分（ａ）はフッ素原子含
有ポリマーではないところの組成物を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　２５個までの炭素原子を有するアルキル基は、枝分かれした又は枝分かれしてない基、
例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、第二ブチル基
、イソブチル基、第三ブチル基、２－エチルブチル基、ｎ－ペンチル基、イソペンチル基
、１－メチルペンチル基、１，３－ジメチルブチル基、ｎ－ヘキシル基、１－メチルヘキ
シル基、ｎ－ヘプチル基、イソヘプチル基、１，１，３，３－テトラ－メチルブチル基、
１－メチルヘプチル基、３－メチルヘプチル、ｎ－オクチル基、２－エチルヘキシル基、
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１，１，３－トリメチルヘキシル基、１，１，３，３－テトラメチルペンチル基、ノニル
基、デシル基、ウンデシル基、１－メチルウンデシル基、ドデシル基、１，１，３，３，
５，５－ヘキサメチルヘキシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘ
キサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、イコシル基又はドコシル基である。Ｒ

1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5に対する好ましい定義の１つは、例えば炭素原子数１ないし１
８のアルキル基である。特にＲ7に対する好ましい定義は、炭素原子数１ないし８のアル
キル基である。
　２５個までの炭素原子を有するアルコキシ基は、枝分かれした又は枝分かれしてない基
、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、
第二ブトキシ基、イソブトキシ基、第三ブトキシ基、２－エチルブトキシ基、ｎ－ペンチ
ルオキシ基、イソペンチルオキシ基、１－メチルペンチルオキシ基、１，３－ジメチルブ
トキシ基、ｎ－ヘキシルオキシ基、１－メチルヘキシルオキシ基、ｎ－ヘプチルオキシ基
、イソヘプチルオキシ基、１，１，３，３－テトラメチルブトキシ基、１－メチルヘプチ
ルオキシ基、３－メチルヘプチルオキシ基、ｎ－オクチルオキシ基、２－エチルヘキシル
オキシ基、１，１，３－トリメチルヘキシルオキシ基、１，１，３，３－テトラメチルペ
ントキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、１－メチルウンデ
シルオキシ基、ドデシルオキシ基、１，１，３，３，５，５－ヘキサメチルヘキシルオキ
シ基、トリデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、ペンタデシルオキシ基、ヘキサデシ
ルオキシ基、ヘプタデシルオキシ基、オクタデシルオキシ基、イコシルオキシ基又はドコ
シルオキシ基である。
【０００６】
　フッ素含有基は、少なくとも１個のフッ素原子を含有する枝分かれした又は枝分かれし
てない基、例えば炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基であり、炭素原子数１な
いし２５のフルオロアルキル基は、例えばフルオロメチル基、２－フルオロエチル基、３
－フルオロプロピル基、４－フルオロブチル基、５－フルオロペンチル基、６－フルオロ
ヘキシル基、７－フルオロヘプチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペ
ンタフルオロエチル基、ペンタフルオロブチル基又はパーフルオロアルキル基、例えば－
ＣＨ2ＣＨ2（ＣＦ2）7ＣＦ3などである。
　炭素原子数７ないし９のフェニルアルキル基は、例えばベンジル基、α－メチルベンジ
ル基、α，α－ジメチルベンジル基又は２－フェニルエチル基である。好ましいのはベン
ジル基である。
【０００７】
　興味深い組成物は、成分（ｂ）として少なくとも式Ｉで表される化合物であって、
式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ないし１
８のアルキル基、炭素原子数１ないし１８のアルコキシ基、ベンジル基、フェニル基、－
Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2又はＲ2とＲ3の各対は、結合する炭素原子と一緒に
なってベンゼン環を形成し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は
水素原子を表し；及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表
さず；
Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6は
炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有し、
Ｘは、
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【化６】

を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし８のアルキル基を表すところの化合物を含む。
【０００８】
　好ましい組成物は、成分（ｂ）として少なくとも式Ｉ（式中、Ｒ6は炭素原子数１ない
し２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアルキル基を表す。）で表さ
れる化合物を含み；但し、式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中
、Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有する。
　好ましいのは、また成分（ｂ）として少なくとも、式Ｉ（式中、Ｘはカルボニル基が芳
香族環に結合されているところの
【化７】

を表す。）で表される化合物を含む組成物である。
【０００９】
　特に好ましいのは成分（ｂ）として少なくとも式Ｉで表される化合物であって、
式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ないし８
のアルキル基、炭素原子数４ないし１８のアルコキシ基、フェニル基、－Ｘ－Ｒ6を表し
、又は置換基Ｒ1とＲ2の対は、結合する炭素原子と一緒になってベンゼン環を形成し；そ
して但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は水素原子を表し；及び但し、Ｒ

1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6は
炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有し；
Ｘは、

【化８】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし８のアルキル基を表すところの化合物を含む組成
物である。
【００１０】
　興味深いのは、成分（ｂ）として少なくとも式Ｉで表される化合物であって、
式中、Ｒ1は水素原子又は炭素原子数１ないし４のアルキル基を表し、
Ｒ2は水素原子、炭素原子数１ないし４のアルキル基、－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1

とＲ2の対は、結合する炭素原子と一緒になってベンゼン環を形成し、
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Ｒ3は水素原子、炭素原子数１ないし４のアルキル基、フェニル基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ4は水素原子、炭素原子数１ないし４のアルキル基、炭素原子数４ないし１８のアルコ
キシ基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ5は水素原子又は－Ｘ－Ｒ6を表し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２
個の基が水素原子を表し；及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基が水素
原子を表さず；
Ｒ6は炭素原子数４ないし１８のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し、式Ｉで表される化合物が少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6

は炭素原子数４ないし１８のフルオロアルキル基を表す。）を含有し；及び
Ｘは
【化９】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表すところの化合物を含む組成物であ
る。
【００１１】
　興味深いのはまた、式Ｉで表される化合物であって、
式中、Ｒ1は水素原子を表し、
Ｒ2は水素原子、－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2の対は、結合する炭素原子と一緒
になってベンゼン環を形成し、
Ｒ3は水素原子、フェニル基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ4は水素原子、炭素原子数４ないし１８のアルコキシ基又は－Ｘ－Ｒ6を表し、
Ｒ5は水素原子又は－Ｘ－Ｒ6を表し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２
個の基が水素原子を表し；及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基が水素
原子を表さず；
Ｒ6は－ＣＨ2ＣＨ2（ＣＦ2）7ＣＦ3又は炭素原子数１ないし１８のアルキル基を表し；但
し、式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6は－ＣＨ2ＣＨ2（
ＣＦ2）7ＣＦ3を表す。）を含有し；及び
Ｘは
【化１０】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表すところの化合物の少なくとも１個
を含む組成物である。
【００１２】
　式Ｉで表される化合物は、それ自体既知の方法、例えばカルボン酸とアルコール又はア
ミドとのエステル化又はアミド化によって調製し得る。ウレタンは、好ましくはイソシア
ネートとアルコールとの反応によって調製される。
【００１３】
　上記式Ｉで表される化合物は、有機物質のための撥油剤及び撥水剤として適している。
本発明の組成物中に存在し得る有機物質の例は、下記の物質である：
１．　モノオレフィン及びジオレフィンのポリマー、例えばポリプロピレン、ポリイソブ
チレン、ポリブテ－１－エン、ポリ－４－メチルペンテ－１－エン、ポリビニルシクロヘ
キサン、ポリイソプレン又はポリブタジエン、並びにシクロオレフィン、例えばシクロペ
ンテン又はノルボルネンのポリマー、ポリエチレン（所望により架橋し得る。）、例えば
高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、高密度高分子量ポリエチレン（ＨＤＰＥ－ＨＭＷ）、
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高密度超高分子量ポリエチレン（ＨＤＰＥ－ＵＨＭＷ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ
）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、（ＶＬ
ＤＰＥ）及び（ＵＬＤＰＥ）。
　ポリオレフィン、即ち前段落において例示されたモノオレフィンのポリマー、好ましく
はポリエチレン及びポリプロピレンは、異なる方法、そして特に下記の方法により生成さ
れることができる。
ａ）ラジカル重合（普通、高圧下及び高温で）。
ｂ）普通、周期表のＩＶｂ、Ｖｂ、ＶＩｂ又はＶＩＩＩ族の一つ以上の金属を含有する触
媒を使用する触媒重合。これらの金属は通常、典型的にはπ－又はσ－配位し得るオキシ
ド、ハライド、アルコレート、エステル、エーテル、アミン、アルキル、アルケニル及び
／又はアリールのような一つ以上の配位子を有する。これらの金属錯体は遊離形態又は、
典型的には活性化された塩化マグネシウム、塩化チタン（ＩＩＩ）、アルミナ又は酸化ケ
イ素のような基材上に固定され得る。これらの触媒は重合媒体中に可溶又は不溶であり得
る。該触媒は重合においてそのまま使用されることができ、又は典型的には金属アルキル
、金属ヒドリド、金属アルキルハライド、金属アルキルオキシド又は金属アルキルオキサ
ンであって、該金属は周期表のＩａ、ＩＩａ及び／又はＩＩＩａ族の元素であるさらなる
活性化剤が使用され得る。該活性化剤は、さらなるエステル、エーテル、アミン又はシリ
ルエーテル基で都合良く変性され得る。これらの触媒系は通常、フィリップス、スタンダ
ード・オイル・インディアナ、チグラー（－ナッタ）、ＴＮＺ（デュポン）、メタロセン
又はシングルサイト触媒（ＳＳＣ）と命名されている。
【００１４】
２．　１）で述べたポリマーの混合物、例えばポリプロピレンとポリイソブチレン、ポリ
プロピレンとポリエチレン（例えばＰＰ／ＨＤＰＥ、ＰＰ／ＬＤＰＥ）の混合物及び異な
る種類のポリエチレンの混合物（例えばＬＤＰＥ／ＨＤＰＥ）。
３．　モノオレフィン及びジオレフィンの相互又は他のビニルモノマーとのコポリマー、
例えばエチレン／プロピレンコポリマー、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）及び低
密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）とのそれらの混合物、プロピレン／ブテ－１－エンコポリ
マー、プロピレン／イソブチレンコポリマー、エチレン／ブテ－１－エンコポリマー、エ
チレン／ヘキセンコポリマー、エチレン／メチルペンテンコポリマー、エチレン／ヘプテ
ンコポリマー、エチレン／オクテンコポリマー、エチレン／ビニルシクロヘキサンコポリ
マー、エチレン／シクロオレフィンコポリマー（例えば、ＣＯＣのようなエチレン／ノル
ボルネン）、エチレン／１－オレフィンコポリマーであって１－オレフィンがその場で生
成されるもの；プロピレン／ブタジエンコポリマー、イソブチレン／イソプレンコポリマ
ー、エチレン／ビニルシクロヘキセンコポリマー、エチレン／アルキルアクリレートコポ
リマー、エチレン／アルキルメタクリレートコポリマー、エチレン／酢酸ビニルコポリマ
ー又はエチレン／アクリル酸コポリマー及びそれらの塩（アイオノマー）並びにエチレン
とプロピレン及び、へキサジエン、ジシクロペンタジエン又はエチリデン－ノルボルネン
のようなジエンとのターポリマー；及びそのようなコポリマー相互及び１）において上述
したポリマーとの混合物、例えばポリプロピレン／エチレン－プロピレンコポリマー、Ｌ
ＤＰＥ／エチレン－酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）、ＬＤＰＥ／エチレン－アクリル酸
コポリマー（ＥＡＡ）、ＬＬＤＰＥ／ＥＶＡ、ＬＬＤＰＥ／ＥＡＡ及び交互又はランダム
のポリアルキレン／一酸化炭素コポリマー及びその他のポリマー、例えばポリアミドとの
混合物。
【００１５】
４．　炭化水素樹脂（例えば炭素原子数５ないし９）であって、その水素化変性物（例え
ば粘着付与剤）を含むもの、及びポリアルキレン及びデンプンの混合物。
１．）ないし４．）からのホモポリマー及びコポリマーは、シンジオタクチック、アイソ
タクチック、ヘミ－アイソタクチック又はアタクチックを含むあらゆる立体構造を有する
ことができ；アタクチックポリマーが好ましい。ステレオブロックポリマーもまた含まれ
る。
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５．　ポリスチレン、ポリ（ｐ－メチルスチレン）、ポリ（α－メチルスチレン）。
【００１６】
６．　スチレン、α－メチルスチレン、全てのビニルトルエン異性体、特にｐ－ビニルト
ルエン、全てのエチルスチレン、プロピルスチレン、ビニルビフェニル、ビニルナフタレ
ン、及びビニルアントラセンの異性体、及びそれらの混合物を含むビニル芳香族モノマー
から誘導された芳香族ホモポリマー及びコポリマー。ホモポリマー及びコポリマーは、シ
ンジオタクチック、アイソタクチック、ヘミ－アイソタクチック又はアタクチックを含む
あらゆる立体構造を有することができ；アタクチックポリマーが好ましい。ステレオブロ
ックポリマーもまた含まれる。
６ａ．　上述のビニル芳香族モノマーと、エチレン、プロピレン、ジエン、ニトリル、酸
、無水マレイン酸、マレイミド、酢酸ビニル及び塩化ビニルより選択されたコモノマーと
のコポリマー又はそれらのアクリル誘導体及び混合物、例えばスチレン／ブタジエン、ス
チレン／アクリロニトリル、スチレン／エチレン（インターポリマー）、スチレン／アル
キルメタクリレート、スチレン／ブタジエン／アルキルアクリレート、スチレン／ブタジ
エン／アルキルメタクリレート、スチレン／無水マレイン酸、スチレン／アクリロニトリ
ル／メチルアクリレート、スチレンコポリマーと他のポリマー、例えばポリアクリレート
、ジエンポリマー又はエチレン／プロピレン／ジエンターポリマーとの高衝撃強度性の混
合物；及びスチレン／ブタジエン／スチレン、スチレン／イソプレン／スチレン、スチレ
ン／エチレン／ブチレン／スチレン又はスチレン／エチレン／プロピレン／スチレンのよ
うなスチレンのブロックコポリマー。
６ｂ．　６．）で述べたポリマーの水素化から誘導された水素化芳香族ポリマー、特にア
タクチックポリスチレンを水素化することにより生成されたポリシクロヘキシルエチレン
（ＰＣＨＥ）であって、しばしばポリビニルシクロヘキサン（ＰＶＣＨ）として言及され
るものを含む。
６ｃ．　６ａ．）で述べたポリマーの水素化から誘導された水素化芳香族ポリマー。
　ホモポリマー及びコポリマーは、シンジオタクチック、アイソタクチック、ヘミ－アイ
ソタクチック又はアタクチックを含むあらゆる立体構造を有することができ；アタクチッ
クポリマーが好ましい。ステレオブロックポリマーもまた含まれる。
【００１７】
７．　スチレン又はａ－メチルスチレンのようなビニル芳香族モノマーのグラフトコポリ
マー、例えばポリブタジエンにスチレン、ポリブタジエン－スチレン又はポリブタジエン
－アクリロニトリルのコポリマーにスチレン；ポリブタジエンにスチレン及びアクリロニ
トリル（又はメタクリロニトリル）；ポリブタジエンにスチレン、アクリロニトリル及び
メチルメタクリレート；ポリブタジエンにスチレン及びマレイン酸無水物；ポリブタジエ
ンにスチレン、アクリロニトリル及び無水マレイン酸又はマレイミド；ポリブタジエンに
スチレン及びマレイミド；ポリブタジエンにスチレン及びアルキルアクリレート又はメタ
クリレート；エチレン／プロピレン／ジエンターポリマーにスチレン及びアクリロニトリ
ル；ポリアルキルアクリレート又はポリアルキルメタクリレートにスチレン及びアクリロ
ニトリル、アクリレート／ブタジエンコポリマーにスチレン及びアクリロニトリル、並び
にそれらの６）で列挙したコポリマーとの混合物、例えばＡＢＳ、ＭＢＳ、ＡＳＡ又はＡ
ＥＳポリマーとして既知であるコポリマー混合物。
８．　ハロゲン含有ポリマー、例えばポリクロロプレン、塩素化ゴム、イソブチレン－イ
ソプレンの塩素化及び臭素化コポリマー（ハロブチルゴム）、塩素化又はスルホ塩素化ポ
リエチレン、エチレン及び塩素化エチレンのコポリマー、エピクロロヒドリンホモ－及び
コポリマー、特にハロゲン含有ビニル化合物のポリマー、例えばポリ塩化ビニル、ポリ塩
化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、並びに塩化ビニル／塩化ビニ
リデン、塩化ビニル／酢酸ビニル又は塩化ビニリデン／酢酸ビニルコポリマーのようなそ
れらのコポリマー。
【００１８】
９．　α，β－不飽和酸から誘導されたポリマー並びにポリアクリレート及びポリメタク
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リレートのようなそれらの誘導体；ポリメチルメタクリレート、ポリアクリルアミド及び
ポリアクリロニトリルであって、ブチルアクリレートで耐衝撃改質されたもの。
１０．　９）で述べたモノマーの相互又は他の不飽和モノマーとのコポリマー、例えばア
クリロニトリル／ブタジエンコポリマー、アクリロニトリル／アルキルアクリレートコポ
リマー、アクリロニトリル／アルコキシアルキルアクリレート又はアクリロニトリル／ビ
ニルハライドコポリマー又はアクリロニトリル／アルキルメタクリレート／ブタジエンタ
ーポリマー。
１１．　不飽和アルコールとアミンとから誘導されたポリマー又はそのアシル誘導体もし
くはそれらのアセタール、例えばポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルス
テアレート、ポリビニルベンゾエート、ポリビニルマレエート、ポリビニルブチラル、ポ
リアリルフタレート又はポリアリルメラミン、並びに１）において上述したオレフィンと
のそれらのコポリマー。
１２．　環式エーテルのホモポリマー及びコポリマー、例えばポリアルキレングリコール
、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、又はビスグリシジルエーテルとのそ
れらのコポリマー。
【００１９】
１３．　ポリオキシメチレンのようなポリアセタール及びコモノマーとしてエチレンオキ
シドを含有するポリオキシメチレン、熱可塑性ポリウレタン、アクリレート又はＭＢＳで
変性されたポリアセタール。
１４．　ポリフェニレンオキシド及びスルフィド、及びポリフェニレンオキシドとスチレ
ンポリマー又はポリアミドとの混合物。
１５．　一方の成分としてのヒドロキシル末端のポリエーテル、ポリエステル又はポリブ
タジエンと、他方の成分としての脂肪族又は芳香族ポリイソシアナートとから誘導された
ポリウレタン、並びにそれらの前駆体。
１６．　ジアミシとジカルボン酸とから及び／又はアミノカルボン酸又は対応するラクタ
ムから誘導されたポリアミド及びコポリアミド、例えばポリアミド４、ポリアミド６、ポ
リアミド６／６、６／１０、６／９、６／１２、４／６、１２／１２、ポリアミド１１、
ポリアミド１２、ｍ－キシレンジアミン及びアジピン酸から出発した芳香族ポリアミド；
へキサメチレンジアミン及びイソフタル酸又は／及びテレフタル酸から変性剤としてのエ
ラストマーを伴って又は伴わずに調製されたポリアミド、例えばポリ－２，４，４－トリ
メチルヘキサメチレンテレフタルアミド又はポリ－ｍ－フェニレンイソフタルアミド、及
びまた上述されたポリアミドと、ポリオレフィン、オレフィンコポリマー、アイオノマー
又は化学的に結合もしくはグラフト化したエラストマーとの、又はポリエーテル、例えば
ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール又はポリテトラメチレングリコール
とのブロックコポリマー、並びにＥＰＤＭ又はＡＢＳで変性されたポリアミド又はコポリ
アミド、及び加工の間に縮合したポリアミド（ＲＩＭポリアミド系）。
【００２０】
１７．　ポリ尿素、ポリイミド、ボリアミド－イミド、ポリエーテルイミド、ポリエステ
ルイミド、ポリヒダントイン及びポリベンゾイミダゾール。
１８．　ジカルボン酸とジオールとから及び／又はヒドロキシカルボン酸又は対応するラ
クトンから誘導されたポリエステル、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレン
テレフタレート、ポリ－１，４－ジメチロールシクロヘキサンテレフタレート、ポリアル
キレンナフタレート（ＰＡＮ）及びポリヒドロキシベンゾエート、並びにヒドロキシル末
端のポリエーテルから誘導されたブロックコポリエーテルエステル、及びまたポリカーボ
ネート又はＭＢＳで変性したポリエステル。
１９．　ポリカーボネート及びポリエステルカーボネート。
２０．　ポリスルホン、ポリエーテルスルホン及びポリエーテルケトン。
２１．　一方の成分としてアルデヒドと、他方の成分としてフェノール、尿素及びメラミ
ンから誘導された架橋ポリマー、例えばフェノール／ホルムアルデヒド樹脂、尿素／ホル
ムアルデヒド樹脂及びメラミン／ホルムアルデヒド樹脂。
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２２．　乾式及び非乾式アルキッド樹脂。
【００２１】
２３．　架橋剤としての多価アルコール及びビニル化合物と共に飽和及び不飽和ジカルボ
ン酸のコポリエステルから誘導された不飽和ポリエステル樹脂、及びまた低燃性のそれら
のハロゲン含有改質物。
２４．　置換アクリレートから誘導された架橋可能なアクリル樹脂、例えばエポキシアク
リレート、ウレタンアクリレート又はポリエステルアクリレート。
２５．　メラミン樹脂、尿素樹脂、イソシアネート、イソシアヌレート、ポリイソシアネ
ート又はエポキシ樹脂と架橋されたアルキッド樹脂、ポリエステル樹脂及びアクリレート
樹脂。
２６．脂肪族、環式脂肪族、ヘテロ環式又は芳香族グリシジル化合物から誘導された架橋
エポキシ樹脂、例えば、ビスフェノールＡ及びビスフェノールＦのジグリシジルエーテル
の生成物であって、無水物又はアミンのような慣用の硬化剤と促進剤を伴って又は伴わず
に架橋されたもの。
２７．　セルロース、ゴム、ゼラチンのような天然ポリマー、及びその化学変性された類
似誘導体、例えばセルロースアセテート、セルロースプロピオネート及びセルロースブチ
レート、又はメチルセルロースのようなセルロースエーテル、並びにロジン及びそれらの
誘導体。
【００２２】
２８．　上述したポリマーのブレンド（ポリブレンド）、例えばＰＰ／ＥＰＤＭ、ポリア
ミド／ＥＰＤＭ又はＡＢＳ、ＰＶＣ／ＥＶＡ、ＰＶＣ／ＡＢＳ、ＰＶＣ／ＭＢＳ、ＰＣ／
ＡＢＳ、ＰＢＴＰ／ＡＢＳ、ＰＣ／ＡＳＡ、ＰＣ／ＰＢＴ、ＰＶＣ／ＣＰＥ、ＰＶＣ／ア
クリレート、ＰＯＭ／熱可塑性ＰＵＲ、ＰＣ／熱可塑性ＰＵＲ、ＰＯＭ／アクリレート、
ＰＯＭ／ＭＢＳ、ＰＰＯ／ＨＩＰＳ、ＰＰＯ／ＰＡ６．６及びコポリマー、ＰＡ／ＨＤＰ
Ｅ、ＰＡ／ＰＰ、ＰＡ／ＰＰＯ、ＰＢＴ／ＰＣ／ＡＢＳ又はＰＢＴ／ＰＥＴ／ＰＣ。
２９．純モノマー化合物又はそのような化合物の混合物である天然及び合成有機物質、例
えば鉱油、動物性及び植物性脂肪、油及びワックス、又は合成エステル（例えばフタレー
ト、アジペート、ホスフェート又はトリメリテート）に基づく油、脂肪、ワックス及びま
たあらゆる質量比で合成エステルと鉱油との混合物、典型的にスピニング組成物として使
用されるもの、並びにそのような物質の水性エマルション。
３０．天然又は合成ゴムの水性エマルション、例えば天然ラテックス又はカルボキシル化
スチレン／ブタジエンコポリマーのラテックス。
【００２３】
　好ましい有機物質は、天然、半合成又は好ましくは合成ポリマーである。
　特に言及される有機物質は、合成ポリマー、最も好ましいのは熱可塑性ポリマーである
。とりわけ好ましい有機物質は、ポリアセタール、ポリプロピレン又はポリエチレンのよ
うなポリオレフィン、ポリエーテル／ポリウレタン、ポリブチレンテレフタレートのよう
なポリエステル、ポリカーボネート又はポリアミドである。
　特筆されるべきは、有機物質の表面エネルギー減少剤としての式Ｉで表される化合物［
成分（ｂ）］の効果である。低い表面エネルギーを有する有機物質は、本質的に例えば撥
水性及び撥油性、疎水性、遮断性、洗浄容易性、自己洗浄性、耐落書き性（ａｎｔｉｇｒ
ａｆｆｉｔｉ）又は耐溶剤性のようなより優れた性質を有する。
【００２４】
　式Ｉで表される化合物は、有機物質の質量に基づき、０．０１ないし１０％、好ましく
は０．０１ないし２％、典型的に０．１ないし２％の濃度で有機物質に好ましくは加えら
れるだろう。
【００２５】
　成分（ａ）及び（ｂ）に加えて、本発明の組成物は、例えば下記のような更なる添加剤
を含み得る：
１．　酸化防止剤
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１．１．　アルキル化モノフェノール、例えば、
２，６－ジ－第三ブチル－４－メチルフェノール、２－第三ブチル－４，６－ジメチルフ
ェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－エチルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－
４－ｎ－ブチルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－イソブチルフェノール、２，
６－ジシクロペンチル－４－メチルフェノール、２－（α－メチルシクロヘキシル）－４
，６－ジメチルフェノール、２，６－ジオクタデシル－４－メチルフェノール、２，４，
６－トリシクロヘキシルフェノール、
２，６－ジ－第三ブチル－４－メトキシメチルフェノール、線状又は側鎖において分岐し
たノニルフェノール、例えば２，６－ジノニル－４－メチルフェノール、２，４－ジメチ
ル－６－（１’－メチルウンデシ－１’－イル）フェノール、２，４－ジメチル－６－（
１’－メチルヘプタデシ－１’－イル）フェノール、２，４－ジメチル－６－（１’－メ
チルトリデシ－１’－イル）フェノール及びそれらの混合物。
１．２．　アルキルチオメチルフェノール、例えば、
２，４－ジオクチルチオメチル－６－第三ブチルフェノール、２，４－ジオクチルチオメ
チル－６－メチルフェノール、２，４－ジオクチルチオメチル－６－エチルフェノール、
２，６－ジ－ドデシルチオメチル－４－ノニルフェノール。
１．３．　ヒドロキノンおよびアルキル化ヒドロキノン、例えば、
２，６－ジ－第三ブチル－４－メトキシフェノール、２，５－ジ－第三ブチルヒドロキノ
ン、２，５－ジ－第三アミルヒドロキノン、２，６－ジフェニル－４－オクタデシルオキ
シフェノール、２，６－ジ－第三ブチルヒドロキノン、２，５－ジ－第三ブチル－４－ヒ
ドロキシアニソール、３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシアニソール、３，５－ジ
－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルステアレート、ビス（３，５－ジ－第三ブチル－
４－ヒドロキシフェニル）アジペート。
【００２６】
１．４．　トコフェロール、例えば、
α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、δ－トコフェロールお
よびそれらの混合物（ビタミンＥ）。
１．５．　ヒドロキシ化チオジフェニルエーテル、例えば、
２，２’－チオビス（６－第三ブチル－４－メチルフェノール）、２，２’－チオビス（
４－オクチルフェノール）、４，４’－チオビス（６－第三ブチル－３－メチルフェノー
ル）、４，４’－チオビス（６－第三ブチル－２－メチルフェノール）、
４，４’－チオビス（３，６－ジ－第二アミルフェノール）、４，４’－ビス（２，６－
ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）ジスルフィド。
１．６．　アルキリデンビスフェノール、例えば、
２，２’－メチレンビス（６－第三ブチル－４－メチルフェノール）、２，２’－メチレ
ンビス（６－第三ブチル－４－エチルフェノール）、２，２’－メチレンビス［４－メチ
ル－６－（α－メチルシクロヘキシル）フェノール］、２，２’－メチレンビス（４－メ
チル－６－シクロヘキシルフェノール）、２，２’－メチレンビス（６－ノニル－４－メ
チルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４，６－ジ－第三ブチルフェノール）、２
，２’－エチリデンビス（４，６－ジ－第三ブチルフェノール）、２，２’－エチリデン
ビス（６－第三ブチル－４－イソブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス［６－（
α－メチルベンジル）－４－ノニルフェノール］、２，２’－メチレンビス［６－（α，
α－ジメチルベンジル）－４－ノニルフェノール］、４，４’－メチレンビス（２，６－
ジ－第三ブチルフェノール）、４，４’－メチレンビス（６－第三ブチル－２－メチルフ
ェノール）、１，１－ビス（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル）ブ
タン、２，６－ビス（３－第三ブチル－５－メチル－２－ヒドロキシベンジル）－４－メ
チルフェノール、１，１，３－トリス（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフ
ェニル）ブタン、１，１－ビス（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル
）－３－ｎ－ドデシルメルカプトブタン、エチレングリコールビス［３，３－ビス（３’
－第三ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）ブチレート］、ビス（３－第三ブチル－４－
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ヒドロキシ－５－メチル－フェニル）ジシクロペンタジエン、ビス［２－（３’－第三ブ
チル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルベンジル）－６－第三ブチル－４－メチルフェニ
ル］テレフタレート、１，１－ビス（３，５－ジメチル－２－ヒドロキシフェニル）ブタ
ン、２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，
２－ビス（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル）－４－ｎ－ドデシル
メルカプトブタン、１，１，５，５－テトラ（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－２－メ
チルフェニル）ペンタン。
【００２７】
１．７．　Ｏ－、Ｎ－およびＳ－ベンジル化合物、例えば、
３，５，３’，５’－テトラ－第三ブチル－４，４’－ジヒドロキシジベンジルエーテル
、オクタデシル－４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルベンジルメルカプトアセテート、ト
リデシル－４－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジルメルカプトアセテート、ト
リス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）アミン、ビス（４－第三ブチ
ル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）ジチオテレフタレート、ビス（３，５
－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）スルフィド、イソオクチル－３，５－ジ－
第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルメルカプトアセテート。
１．８．　ヒドロキシベンジル化マロネート、例えば、
ジオクタデシル－２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－２－ヒドロキシベンジル）マ
ロネート、ジオクタデシル－２－（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルベンジ
ル）マロネート、ジドデシルメルカプトエチル－２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル
－４－ヒドロキシベンジル）マロネート、ビス［４－（１，１，３，３－テトラメチルブ
チル）フェニル］－２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）
マロネート。
１．９．　芳香族ヒドロキシベンジル化合物、例えば、
１，３，５－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２，４，６
－トリメチルベンゼン、１，４－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジ
ル）－２，３，５，６－テトラメチルベンゼン、２，４，６－トリス（３，５－ジ－第三
ブチル－４－ヒドロキシベンジル）フェノール。
【００２８】
１．１０．　トリアジン化合物、例えば、
２，４－ビス（オクチルメルカプト）－６－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシ
アニリノ）－１，３，５－トリアジン、２－オクチルメルカプト－４，６－ビス（３，５
－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２－オクチル
メルカプト－４，６－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェノキシ）－１
，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシ
フェノキシ）－１，２，３－トリアジン、１，３，５－トリス（３，５－ジ－第三ブチル
－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート、１，３，５－トリス（４－第三ブチル－
３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシアヌレート、２，４，６－トリス（
３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルエチル）－１，３，５－トリアジン、
１，３，５－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）
ヘキサヒドロ－１，３，５－トリアジン、１，３，５－トリス（３，５－ジシクロヘキシ
ル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート。
１．１１．　ベンジルホスホネート、例えば、
ジメチル－２，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジエチル－
３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシル－３，
５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシル－５－第三
ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルベンジルホスホネート、３，５－ジ－第三ブチル－
４－ヒドロキシベンジルホスホン酸のモノエチルエステルのカルシウム塩。
１．１２．　アシルアミノフェノール、例えば、
４－ヒドロキシラウラニリド、４－ヒドロキシステアラニリド、オクチルＮ－（３，５－
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ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）カルバメート。
【００２９】
１．１３．　β－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸の
エステルであって、一価または多価アルコール、例えば、
メタノール、エタノール、ｎ－オクタノール、ｉ－オクタノール、オクタデカノール、１
，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロ
パンジオール、ネオペンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコ
ール、トリエチレングリコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イ
ソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノ
ール、３－チアペンタデカノール、
トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシメチル－１－ホ
スファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタンとのエステル。
１．１４．　β－（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）プロピオン
酸のエステルであって、一価または多価アルコール、例えば、
メタノール、エタノール、ｎ－オクタノール、ｉ－オクタノール、オクタデカノール、１
，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロ
パンジオール、ネオペンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコ
ール、トリエチレングリコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イ
ソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノ
ール、３－チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパ
ン、４－ヒドロキシメチル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．
２］オクタン、３，９－ビス［２－｛３－（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチ
ルフェニル）プロピオニルオキシ｝－１，１－ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テ
トラオキサスピロ［５．５］ウンデカンとのエステル。
１．１５．　β－（３，５－ジシクロヘキシル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸
のエステルであって、一価または多価アルコール、例えば、
メタノール、エタノール、オクタノール、
オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオール、
１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、
ネオペンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコール、
トリエチレングリコール、ペンタエリトリトール、
トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、
Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、
３－チアウンデカノール、３－チアペンタデカノール、
トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、
４－ヒドロキシメチル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］
オクタンとのエステル。
【００３０】
１．１６．　３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル酢酸のエステルであって
、一価または多価アルコール、例えば、
メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオール
、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ネオペン
チルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリ
コール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、Ｎ，Ｎ
’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノール、３－チアペンタデ
カノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシメチ
ル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタンとのエステ
ル。
１．１７．　β－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸の
アミド、例えば、
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Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヘキ
サメチレンジアミド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニ
ルプロピオニル）トリメチレンジアミド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４
－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス［２－（３－［３，５
－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオニルオキシ）エチル］オキサミド
（ユニロイヤル社製ナウガードＸＬ－１；登録商標：Ｎａｕｇａｒｄ）。
１．１８．　アスコルビン酸（ビタミンＣ）。
【００３１】
１．１９．　アミン系酸化防止剤、例えば、
Ｎ，Ｎ’－ジ－イソプロピル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ－第二ブチル－ｐ
－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１，４－ジメチルペンチル）－ｐ－フェニレン
ジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－エチル－３－メチルペンチル）－ｐ－フェニレンジアミ
ン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－メチルヘプチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジシ
クロヘキシル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミ
ン、Ｎ，Ｎ’－ビス（２－ナフチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－イソプロピル－Ｎ
’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェ
ニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１－メチルヘプチル）－Ｎ’－フェニル－ｐ－フ
ェニレンジアミン、Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、４
－（ｐ－トルエンスルファモイル）ジフェニルアミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチル－Ｎ，Ｎ’－
ジ－第二ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、ジフェニルアミン、Ｎ－アリルジフェニルア
ミン、４－イソプロポキシジフェニルアミン、Ｎ－フェニル－１－ナフチルアミン、Ｎ－
（４－第三オクチルフェニル）－１－ナフチルアミン、Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミ
ン、オクチル化ジフェニルアミン、例えばｐ，ｐ’－ジ－第三オクチルジフェニルアミン
、４－ｎ－ブチルアミノフェノール、４－ブチリルアミノフェノール、４－ノナノイルア
ミノフェノール、４－ドデカノイルアミノフェノール、４－オクタデカノイルアミノフェ
ノール、ビス（４－メトキシフェニル）アミン、２，６－ジ－第三ブチル－４－ジメチル
アミノメチルフェノール、２，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジアミノジ
フェニルメタン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－４，４’－ジアミノジフェニルメ
タン、１，２－ビス［（２－メチルフェニル）アミノ］エタン、１，２－ビス（フェニル
アミノ）プロパン、（ｏ－トリル）ビグアニド、ビス［４－（１’，３’－ジメチルブチ
ル）フェニル］アミン、第三オクチル化Ｎ－フェニル－１－ナフチルアミン、モノ－およ
びジアルキル化第三ブチル／第三オクチルジフェニルアミンの混合物、モノ－およびジア
ルキル化ノニルジフェニルアミンの混合物、モノ－およびジアルキル化ドデシルジフェニ
ルアミンの混合物、モノ－およびジアルキル化イソプロピル／イソヘキシル－ジフェニル
アミンの混合物、モノ－およびジアルキル化第三ブチルジフェニルアミンの混合物、２，
３－ジヒドロ－３，３－ジメチル－４Ｈ－１，４－ベンゾチアジン、フェノチアジン、モ
ノ－およびジアルキル化第三ブチル／第三オクチルフェノチアジンの混合物、モノ－およ
びジアルキル化第三オクチルフェノチアジンの混合物、Ｎ－アリルフェノチアジン、Ｎ，
Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラフェニル－１，４－ジアミノブテ－２－エン、Ｎ，Ｎ－ビス（２
，２，６，６－テトラ－メチルピペリジ－４－イル－ヘキサメチレンジアミン）、ビス（
２，２，６，６－テトラメチルピペリジ－４－イル）セバケート、２，２，６，６－テト
ラメチルピペリジノ－４－オン、２，２，６，６－テトラメチルピペリジノ－４－オール
。
【００３２】
２．　ＵＶ吸収剤および光安定剤
２．１．　２－（２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、例えば、
２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’，５
’－ジ－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（５’－第
三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－
５’－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（
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３’，５’－ジ－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾ
ール、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）－５－クロ
ロベンゾトリアゾール、２－（３’－第二ブチル－５’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ
フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－４’－オクチルオキシフェニ
ル）ベンゾトリアゾール、２－（３’，５’－ジ－第三アミル－２’－ヒドロキシフェニ
ル）ベンゾトリアゾール、２－（３’，５’－ビス（α，α－ジメチルベンジル）－２’
－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキ
シ－５’－（２－オクチルオキシカルボニルエチル）フェニル）－５－クロロベンゾトリ
アゾール、２－（３’－第三ブチル－５’－［２－（２－エチルヘキシルオキシ）カルボ
ニルエチル］－２’－ヒドロキシフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（３
’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－メトキシカルボニルエチル）フェニル
）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’
－（２－メトキシカルボニルエチル）フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三
ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－オクチルオキシカルボニルエチル）フェニル）
ベンゾトリアゾール、
２－（３’－第三ブチル－５’－［２－（２－エチルヘキシルオキシ）カルボニルエチル
］－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－ドデシル－２’－ヒ
ドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’
－ヒドロキシ－５’－（２－イソオクチルオキシカルボニルエチル）フェニルベンゾトリ
アゾール、２，２’－メチレンビス［４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－６
－ベンゾトリアゾール－２－イルフェノール］、２－［３’－第三ブチル－５’－（２－
メトキシカルボニルエチル）－２’－ヒドロキシフェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール
とポリエチレングリコール３００とのエステル交換生成物、次式［Ｒ－ＣＨ2ＣＨ2－ＣＯ
Ｏ－ＣＨ2ＣＨ2－］2－（式中、Ｒ＝３’－第三ブチル－４’－ヒドロキシ－５’－２Ｈ
－ベンゾトリアゾリ－２－イルフェニル基）で表されるもの、２－［２’－ヒドロキシ－
３’－（α，α－ジメチルベンジル）－５’－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）
フェニル］ベンゾトリアゾール、２－［２’－ヒドロキシ－３’－（１，１，３，３－テ
トラメチルブチル）－５’－（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］ベンゾトリアゾー
ル。
２．２．　２－ヒドロキシベンゾフェノン、例えば、
４－ヒドロキシ、４－メトキシ、４－オクチルオキシ、４－デシルオキシ、４－ドデシル
オキシ、４－ベンジルオキシ、４，２’，４’－トリヒドロキシおよび２’－ヒドロキシ
－４，４’－ジメトキシ誘導体。
２．３．　置換された及び置換されてない安息香酸のエステル、例えば、
４－第三ブチルフェニルサリチレート、フェニルサリチレート、オクチルフェニルサリチ
レート、ジベンゾイルレゾルシノール、ビス（４－第三ブチルベンゾイル）レゾルシノー
ル、ベンゾイルレゾルシノール、２，４－ジ－第三ブチルフェニル３，５－ジ－第三ブチ
ル－４－ヒドロキシベンゾエート、ヘキサデシル３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキ
シベンゾエート、オクタデシル３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンゾエート、
２－メチル－４，６－ジ－第三ブチルフェニル３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシ
ベンゾエート。
【００３３】
２．４．　アクリレート、例えば、
エチルα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート、イソオクチルα－シアノ－β，β
－ジフェニルアクリレート、メチルα－カルボメトキシシンナメート、メチルα－シアノ
－β－メチル－ｐ－メトキシシンナメート、ブチルα－シアノ－β－メチル－ｐ－メトキ
シシンナメート、メチルα－カルボメトキシ－ｐ－メトキシシンナメート、およびＮ－（
β－カルボメトキシ－β－シアノビニル）－２－メチルインドリン。
２．５．　ニッケル化合物、例えば、
例えば、ｎ－ブチルアミン、トリエタノールアミン又はＮ－シクロヘキシルジエタノール
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アミンのような追加の配位子を所望により有する１：１又は１：２錯体のような２，２'
－チオ－ビス－［４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール］のニッケル
錯体、ニッケルジブチルジチオカルバメート、４－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチル
ベンジルホスホン酸モノアルキルエステルの例えばメチル又はエチルエステルのニッケル
塩、２－ヒドロキシ－４－メチルフェニル－ウンデシルケトキシムのようなケトキシムの
ニッケル錯体、所望により追加の配位子を有する１－フェニル－４－ラウロイル－５－ヒ
ドロキシピラゾールのニッケル錯体。
【００３４】
２．６．　立体障害性アミン、例えば、
ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（２，２，６
，６－テトラメチル－４－ピペリジル）スクシネート、ビス（１，２，２，６，６－ペン
タメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，６，６－
テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル
－４－ピペリジル）ｎ－ブチル－３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルマロ
ネート、１－（２－ヒドロキシエチル）－２，２，６，６－テトラメチル－４－ヒドロキ
シピペリジンとコハク酸との縮合物、Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－
４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミンと４－第三オクチルアミノ－２，６－ジクロロ
－１，３，５－トリアジンとの線状または環式縮合物、トリス（２，２，６，６－テトラ
メチル－４－ピペリジル）ニトリロトリアセテート、テトラキス（２，２，６，６－テト
ラメチル－４－ピペリジル）－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレート、１，１
’－（１，２－エタンジイル）－ビス（３，３，５，５－テトラメチルピペラジノン）、
４－ベンゾイル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４－ステアリルオキシ－２
，２，６，６－テトラメチルピペリジン、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペ
リジル）－２－ｎ－ブチル－２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジル）
マロネート、３－ｎ－オクチル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリアザ
スピロ［４．５］デカン－２，４－ジオン、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，６，６
－テトラメチルピペリジル）セバケート、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，６，６－
テトラメチルピペリジル）スクシネート、Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチ
ル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミンと４－モルホリノ－２，６－ジクロロ－１
，３，５－トリアジンとの線状または環式縮合物、２－クロロ－４，６－ビス（４－ｎ－
ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジル）－１，３，５－トリアジンと
１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタンとの縮合物、２－クロロ－４，６－ジ
－（４－ｎ－ブチルアミノ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジル）－１，３，
５－トリアジンと１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタンとの縮合物、８－ア
セチル－３－ドデシル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリアザスピロ［
４．５］デカン－２，４－ジオン、３－ドデシル－１－（２，２，６，６－テトラメチル
－４－ピペリジル）ピロリジン－２，５－ジオン、３－ドデシル－１－（１，２，２，６
，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）ピロリジン－２，５－ジオン、４－ヘキサデシル
オキシ－および４－ステアリルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンの混合
物、Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）ヘキサメチレン
ジアミンと４－シクロヘキシルアミノ－２，６－ジクロロ－１，３，５－トリアジンとの
縮合物、１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタンと２，４，６－トリクロロ－
１，３，５－トリアジン並びに４－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリ
ジンとの縮合物（ＣＡＳ登録番号［１３６５０４－９６－６］）、１，６－ヘキサンジア
ミンと２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン並びにＮ，Ｎ－ジブチルアミン
と４－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンとの縮合物（ＣＡＳ登録
番号［１９２２６８－６４－７］）、Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリ
ジル）－ｎ－ドデシルスクシンイミド、Ｎ－（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－
ピペリジル）－ｎ－ドデシルスクシンイミド、２－ウンデシル－７，７，９，９－テトラ
メチル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－オキソ－スピロ［４．５］デカン、７，７，
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９，９－テトラメチル－２－シクロウンデシル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－オキ
ソスピロ［４．５］デカンとエピクロロヒドリンとの反応生成物、１，１－ビス（１，２
，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルオキシカルボニル）－２－（４－メトキシ
フェニル）エテン、Ｎ，Ｎ’－ビス－ホルミル－Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テト
ラメチル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミン、４－メトキシメチレンマロン酸と
１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ヒドロキシピペリジンとのジエステル、ポリ［
メチルプロピル－３－オキシ－４－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）
］シロキサン、マレイン酸無水物－α－オレフィンコポリマーと２，２，６，６－テトラ
メチル－４－アミノピペリジンまたは１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－アミノピ
ペリジンとの反応生成物。
【００３５】
２．７．　オキサミド、例えば、
４，４’－ジオクチルオキシオキサニリド、２，２’－ジエトキシオキサニリド、２，２
’－ジオクチルオキシ－５，５’－ジ－第三ブトキサニリド、２，２’－ジドデシルオキ
シ－５，５’－ジ－第三ブトキサニリド、２－エトキシ－２’－エチルオキサニリド、Ｎ
，Ｎ’－ビス（３－ジメチルアミノプロピル）オキサミド、２－エトキシ－５－第三ブチ
ル－２’－エトキサニリドおよびその２－エトキシ－２’－エチル－５，４’－ジ－第三
ブトキサニリドとのその混合物、ｏ－およびｐ－メトキシ二置換オキサニリドの混合物並
びにｏ－およびｐ－エトキシ二置換オキサニリドの混合物。
２．８．　２－（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、例えば、
２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－１，３，５－ト
リアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－４，６－ビス（２，
４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２，４－ジヒドロキシフェニ
ル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－
ビス（２－ヒドロキシ－４－プロピルオキシフェニル）－６－（２，４－ジメチルフェニ
ル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）
－４，６－ビス（４－メチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキ
シ－４－ドデシルオキシフェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，
３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－トリデシルオキシフェニル）－４，６
－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ
－４－（２－ヒドロキシ－３－ブチルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－ビス（２
，４－ジメチル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（２－ヒドロ
キシ－３－オクチルオキシプロピルオキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチ
ル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－（ドデシルオキシ／トリデシルオキシ－２－
ヒドロキシプロポキシ）－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチル
フェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（２－ヒドロキシ－
３－ドデシルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル
）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシ）フェニル－
４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－メトキシフ
ェニル）－４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス［２－ヒ
ドロキシ－４－（３－ブトキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル］－１，３，５－
トリアジン、２－（２－ヒドロキシフェニル）－４－（４－メトキシフェニル）－６－フ
ェニル－１，３，５－トリアジン、２－｛２－ヒドロキシ－４－［３－（２－エチルヘキ
シル－１－オキシ）－２－ヒドロキシプロピルオキシ］フェニル｝－４，６－ビス（２，
４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン。
【００３６】
３．　金属奪活剤、例えば、
Ｎ，Ｎ’－ジフェニルオキサミド、Ｎ－サリチラル－Ｎ’－サリチロイルヒドラジン、Ｎ
，Ｎ’－ビス（サリチロイル）ヒドラジン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－
４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヒドラジン、３－サリチロイルアミノ－１，２，
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４－トリアゾール、ビス（ベンジリデン）オキサリルジヒドラジド、オキサニリド、イソ
フタロイルジヒドラジド、セバコイルビスフェニルヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ジアセチルア
ジポイルジヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）オキサリルジヒドラジド、Ｎ，
Ｎ’－ビス（サリチロイル）チオプロピオニルジヒドラジド。
４．　ホスフィットおよびホスホナイト、例えば、
トリフェニルホスフィット、ジフェニルアルキルホスフィット、フェニルジアルキルホス
フィット、トリス（ノニルフェニル）ホスフィット、トリラウリルホスフィット、トリオ
クタデシルホスフィット、ジステアリルペンタエリトリトールジホスフィット、トリス（
２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ホスフィット、ジイソデシルペンタエリトリトールジ
ホスフィット、ビス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフ
ィット、ビス（２，４－ジ－クミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット、ビ
ス（２，６－ジ－第三ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィッ
ト、ジイソデシルオキシペンタエリトリトールジホスフィット、ビス（２，４－ジ－第三
ブチル－６－メチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット、ビス（２，４，６
－トリス（第三ブチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット、トリステアリル
ソルビトールトリホスフィット、テトラキス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）４，４
’－ビフェニレンジホスホナイト、６－イソオクチルオキシ－２，４，８，１０－テトラ
－第三ブチル－１２Ｈ－ジベンズ［ｄ，ｇ］－１，３，２－ジオキサホスホシン、ビス（
２，４－ジ－第三ブチル－６－メチルフェニル）メチルホスフィット、ビス（２，４－ジ
－第三ブチル－６－メチルフェニル）エチルホスフィット、６－フルオロ－２，４，８，
１０－テトラ－第三ブチル－１２－メチル－ジベンズ［ｄ，ｇ］－１，３，２－ジオキサ
ホスホシン、２，２’，２”－ニトリロ［トリエチルトリス（３，３’，５，５’－テト
ラ－第三ブチル－１，１’－ビフェニル－２，２’－ジイル）ホスフィット］、２－エチ
ルヘキシル（３，３’，５，５’－テトラ－第三ブチル－１，１’－ビフェニル－２，２
’－ジイル）ホスフィット、５－ブチル－５－エチル－２－（２，４，６－トリ－第三ブ
チルフェノキシ）－１，３，２－ジオキサホスフィラン。
【００３７】
５．　ヒドロキシルアミン、例えば、
Ｎ，Ｎ－ジベンジルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ
－ジオクチルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジラウリルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジ
テトラデシルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジヘキサデシルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ
－ジオクタデシルヒドロキシルアミン、Ｎ－ヘキサデシル－Ｎ－オクタデシルヒドロキシ
ルアミン、Ｎ－ヘプタデシル－Ｎ－オクタデシルヒドロキシルアミン、水素化牛脂アミン
から誘導されたＮ，Ｎ－ジアルキルヒドロキシルアミン。
６．　ニトロン、例えば、
Ｎ－ベンジル－アルファ－フェニルニトロン、Ｎ－エチル－アルファ－メチルニトロン、
Ｎ－オクチル－アルファ－ヘプチルニトロン、Ｎ－ラウリル－アルファ－ウンデシルニト
ロン、Ｎ－テトラデシル－アルファ－トリデシルニトロン、Ｎ－ヘキサデシル－アルファ
－ペンタデシルニトロン、Ｎ－オクタデシル－アルファ－ヘプタデシルニトロン、Ｎ－ヘ
キサデシル－アルファ－ヘプタデシルニトロン、Ｎ－オクタデシル－アルファ－ペンタデ
シルニトロン、Ｎ－ヘプタデシル－アルファ－ヘプタデシルニトロン、Ｎ－オクタデシル
－アルファ－ヘキサデシルニトロン、水素化牛脂アミンから誘導されたＮ，Ｎ－ジアルキ
ルヒドロキシルアミンから誘導されたニトロン。
７．　チオ相乗剤、例えば、
ジラウリルチオジプロピオネート、またはジステアリルチオジプロピオネート。
【００３８】
８．　過酸化物捕捉剤、例えば、
β－チオジプロピオン酸のエステル、例えば、ラウリル、ステアリル、ミリスチルまたは
トリデシルエステル、メルカプトベンゾイミダゾールまたは２－メルカプトベンゾイミダ
ゾールの亜鉛塩、亜鉛ジブチルジチオカルバメート、ジオクタデシルジスルフィド、ペン



(25) JP 2008-510868 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

タエリトリトールテトラキス（β－ドデシルメルカプト）プロピオネート。
９．　ポリアミド安定剤、例えば
ヨウ化物および／またはリン化合物と組み合わせた銅塩および二価マンガンの塩。
１０．　塩基性補助安定剤、例えば、
メラミン、ポリビニルピロリドン、ジシアンジアミド、トリアリルシアヌレート、尿素誘
導体、ヒドラジン誘導体、アミン、ポリアミド、ポリウレタン、高級脂肪酸のアルカリ金
属塩およびアルカリ土類金属塩、例えばカルシウムステアレート、亜鉛ステアレート、マ
グネシウムベヘネート、マグネシウムステアレート、ナトリウムリシノレート、およびカ
リウムパルミテート、アンチモンピロカテコレート、または亜鉛ピロカテコレート。
【００３９】
１１．　核剤、例えば、
タルクのような無機物質、二酸化チタン又は酸化マグネシウムのような金属酸化物、好ま
しくはアルカリ土類金属のホスフェート、カーボネートまたはサルフェート、モノ－また
はポリカルボン酸のような有機化合物およびそれらの塩、例えば、４－第三ブチル安息香
酸、アジピン酸、ジフェニル酢酸、ナトリウムスクシネートまたはナトリウムベンゾエー
ト、イオン性コポリマー（アイオノマー）のようなポリマー性化合物。特に好ましいのは
、１，３：２，４－ビス（３’，４’－ジメチルベンジリデン）ソルビトール、１，３：
２，４－ジ（パラメチルジベンジリデン）ソルビトール、および１，３：２，４－ジ（ベ
ンジリデン）ソルビトールである。
１２．　充填剤および強化剤、例えば、
例えば、炭酸カルシウム、シリケート、ガラス繊維、ガラス球、アスベスト、タルク、カ
オリン、マイカ、硫酸バリウム、金属酸化物及び水酸化物、カーボンブラック、グラファ
イト、木粉及び他の天然物の粉末又は繊維、合成繊維。
【００４０】
１３．　その他の添加剤、例えば、
可塑剤、潤滑剤、乳化剤、顔料、流動添加剤、触媒、流れ調整剤、蛍光増白剤、難燃剤、
帯電防止剤、および発泡剤。
１４．　ベンゾフラノンおよびインドリノン、例えば、
米国特許第４，３２５，８６３号明細書、米国特許第４，３３８，２４４号明細書、米国
特許第５，１７５，３１２号明細書、米国特許第５，２１６，０５２号明細書、米国特許
第５，２５２，６４３号明細書、独国特許出願公開第４３１６６１１号明細書、独国特許
出願公開第４３１６６２２号明細書、独国特許出願公開第４３１６８７６号明細書、欧州
特許出願公開第０５８９８３９号明細書もしくは欧州特許出願公開第０５９１１０２号明
細書において開示されるもの、または３－［４－（２－アセトキシエトキシ）フェニル］
－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、５，７－ジ－第三ブチル－３－［４
－（２－ステアロイルオキシエトキシ）フェニル］ベンゾフラノ－２－オン、３，３’－
ビス［５，７－ジ－第三ブチル－３－（４－［２－ヒドロキシエトキシ］フェニル）ベン
ゾフラノ－２－オン］、５，７－ジ－第三ブチル－３－（４－エトキシフェニル）ベンゾ
フラノ－２－オン、３－（４－アセトキシ－３，５－ジメチルフェニル）－５，７－ジ－
第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（３，５－ジメチル－４－ピバロイルオキシフ
ェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（３，４－ジメチルフ
ェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（２，３－ジメチルフ
ェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（２－アセチル－５－
イソオクチルフェニル）－５－イソオクチルベンゾフラノ－２－オン。
【００４１】
　更なる添加剤は、通常、処理される物質の総質量に基づき、０．０１ないし１０％の濃
度で使用される。
　本発明の好ましい組成物は、他の更なる添加剤としてフェノール系酸化防止剤、光安定
剤及び／又は加工安定剤を含む。
　合成ポリマーへの成分（ｂ）及び、必要に応じて、更なる添加剤の配合は、既知の方法



(26) JP 2008-510868 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

によって、例えば成形前又は成形中に、あるいは溶解した又は分散した化合物を合成ポリ
マーに適用し、適切ならばそれに続いて溶媒をゆっくりと蒸発させることによって行われ
る。
　本発明は、また５ないし９０質量％の量で成分（ａ）及び５ないし８０質量％の量で成
分（ｂ）を含むマスターバッチ又は濃縮物の形態における組成物に関する。
　成分（ｂ）及び、必要に応じて、更なる添加剤はまた、重合前又は重合中又は架橋前に
加えられ得る。
　更なる添加剤の有無に係らず成分（ｂ）は、合成ポリマーに、そのまま配合し得るか、
又はワックス、油又はポリマーに封入して配合し得る。
　更なる添加剤の有無に係らず成分（ｂ）はまた、合成ポリマーに噴霧し得る。他の添加
剤（例えば上述した従来の添加剤）又はそれらの溶融物を希釈することができるので、ポ
リマー上にそれらの添加剤とともに噴霧することが可能である。重合触媒失活の間の噴霧
による添加は特に有利であり、例えば失活のために使用されたスチームを用いて噴霧を行
うことが可能である。
　球状に重合されたポリオレフィンの場合、例えば、他の添加剤の有無に係らず、噴霧に
よって成分（ｂ）を適用することが有利であり得る。
　この方法で調製された合成ポリマーは、多種多様な形態で、例えばフォーム、フィルム
、繊維、テープ、成形用組成物として、形材として、又は塗装材料、特に粉体塗料、接着
剤、パテのための結合剤として、又は特に、例えば、液体又は気体のためのパイプ、フィ
ルム、繊維、ジオメンブレン、テープ、異形材又はタンクのような、抽出媒体と長期に接
触する厚層ポリオレフィン成形物として、用いられ得る。
　好ましい厚層ポリオレフィン成形物は、１ないし５０ｍｍ、特に１ないし３０ｍｍ、例
えば２ないし１０ｍｍの層の厚さを有する。
【００４２】
　本発明による組成物は、様々な造形品の調製のために有利に使用し得る。例は下記の通
りである。
Ｉ－1）浮遊具、海洋用途、ポンツーン、ブイ、デッキのプラスチック木材、桟橋、ボー
ト、カヤック、オール、及びビーチ強化材。

Ｉ－２）自動車用途、特にバンパー、ダッシュボード、バッテリー、リア及びフロントラ
イニング、ボンネットの下の成形部品、ハットシェルフ、トランクライニング、室内装飾
ライニング、エアバッグカバー、フィッティング用電子成形品（ライト）、ダッシュボー
ド用パン、ヘッドランプガラス、計器パネル、外部ライニング、椅子張り、自動車ライト
、ヘッドライト、駐車灯、後灯、停止灯、室内装飾及び外部装飾品；ドアパネル；ガスタ
ンク；前側グレージング；リヤウィンドウ；背もたれ、外部パネル、電線用絶縁体、シー
ル用異形押出し品、クラッディング（ｃｌａｄｄｉｎｇ）、ピラーカバー、シャーシ部品
、排気装置、燃料フィルタ／給油口、燃料ポンプ、燃料タンク、本体側面の成形品、コン
バーチブルの屋根、外部ミラー、外部装飾品、締付具／取付具、フロントエンドモジュー
ル、ガラス、ヒンジ、錠装置、荷台／ルーフラック、加圧／型押部品、シール、側面衝突
防御物、消音材／絶縁体及びサンルーフ。

Ｉ－３）道路交通機器、特に道路標識、路面標識の柱、車の付属品、三角警告板、医療容
器、ヘルメット、タイヤ。

Ｉ－４）備品を含めた航空機、線路、自動車（車、オートバイ）のための機器。

Ｉ－５）宇宙空間用途のための機器、特にロケット及び人工衛星、例えば再突入シールド
。

Ｉ－６）建築及び設計のための機器、採鉱用途、消音システム（ａｃｏｕｓｔｉｃ　ｑｉ
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ｅｔｉｚｅｄ　ｓｙｓｔｅｍｓ）、安全地帯、及びシェルタ。
【００４３】
ＩＩ－１）一般機器、ケース及びカバー、及び電気／電子機器（パーソナルコンピュータ
、電話、携帯電話、プリンタ、テレビ受像機、音響及びビデオ機器）、植木鉢、衛生テレ
ビアンテナ（ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　ＴＶ　ｂｏｗｌ）及びパネル機器。

ＩＩ－２）スチール又は生地のような他の物質用外被。

ＩＩ－３）電子産業のための機器、特にプラグ用絶縁体、とりわけコンピュータプラグ、
電気及び電子部品用ケース、プリント基板、及びチップ、チェックカード又はクレジット
カードのような電子データ記憶用材料。

ＩＩ－４）電気機器、特に洗濯機、タンブラー、オーブン（電子レンジ）、食器洗浄機、
ミキサー及びアイロン。

ＩＩ－５）電灯カバー（例えば街路灯、ランプシェード）。

ＩＩ－６）ワイヤ及びケーブル用途（半導体、絶縁体及びケーブル外被）。

ＩＩ－７）コンデンサのフォイル、冷蔵庫、加熱装置、空気調和機、電子機器の絶縁、半
導体、コーヒーメーカー、及び電気掃除機。
【００４４】
ＩＩＩ－１）はめば歯車（ギヤ）、スライド継手（ｓｌｉｄｅ　ｆｉｔｔｉｎｇ）、スペ
ーサ、スクリュー、ボルト、ハンドル、及びノブのような工業製品。

ＩＩＩ－２）回転羽根、換気装置及び風車の羽根、ソーラー機器、スイミングプール、ス
イミングプールカバー、プールライナー、ポンドライナー、押入れ、ワードローブ、隔壁
、スラットウォール（ｓｌａｔ　ｗａｌｌｓ）、折れ戸、屋根、シャッター（例えば、ロ
ールシャッター）、取付け金具、配管間の連結部、スリーブ、及びコンベヤベルト。

ＩＩＩ－３）衛生用品、特にシャワー室、便座、カバー、及びシンク。

ＩＩＩ－４）生理用品、特におむつ（乳児、成人の失禁）、婦人衛生用品、シャワーカー
テン、ブラシ、マット、タブ、携帯トイレ、歯ブラシ、及び差込み便器。

ＩＩＩ－５）水、汚水及び化学薬品用配管（架橋した又は架橋してない）、ワイヤ及びケ
ーブル保護用配管、気体、油及び下水用配管、側溝、たて樋及び排水系。

ＩＩＩ－６）あらゆる形状の形材（ガラス戸）及び羽目板。

ＩＩＩ－７）ガラス代用品、特に押出プレート、建造物用グレージング（一層、二層又は
多層）、航空機、学校、押出シート、建築グレージング用ウィンドフィルム、電車、運搬
、衛生用品、及び温室。

ＩＩＩ－８）プレート（壁、まな板（ｃｕｔｔｉｎｇ　ｂｏａｒｄ））、押出被膜（印画
紙、テトラパック及び配管塗装）、サイロ、木材代用品、プラスチック木材、複合木材、
壁、表面、家具、装飾フォイル、床材（内部及び外部用途）、床板、踏み板（ｄｕｃｋ　
ｂｏａｒｄ）、及びタイル。

ＩＩＩ－９）取水及び排水多岐管。
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ＩＩＩ－１０）セメント－、コンクリート－、複合－用途及びカバー、下見板（ｓｉｄｉ
ｎｇ）及び被覆材（ｃｌａｄｄｉｎｇ）、手すり（ｈａｎｄｒａｉｌｓ）、手すり（ｂａ
ｎｉｓｔｅｒｓ）、台所調理台、屋根材料、屋根板、タイル、及び防水布（ｔｕｒｐａｕ
ｌｉｎｓ）。
【００４５】
ＩＶ－１）プレート（壁、まな板（ｃｕｔｔｉｎｇ　ｂｏａｒｄ））、トレイ、人工芝（
ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　ｇｒａｓｓ）、人工芝（ａｓｔｒｏｔｕｒｆ）、円形競技場（運
動競技場）用人工塗装、円形競技場（運動競技場）用人工床、及びテープ。

ＩＶ－２）連続及び短繊維の織物、繊維（カーペット／衛生用品／ジオテキスタイル／モ
ノフィラメント；フィルタ；雑布（ｗｉｐｅｓ））／カーテン（シェード）／医療用途）
、ばら繊維（ガウン／保護服のような用途）、ネット、ロープ、ケーブル、ストリング、
コード、スレッド、安全シートベルト、衣服、下着、手袋；ブーツ；長靴、肌着、衣料品
、水着、スポーツウェア、傘（パラソル、日除け）、パラシュート、パラグライド、帆、
“バルーン－シルク”、キャンプ商品、テント、空気ベッド、日光浴用いす、バルクバッ
グ、及びバッグ。

ＩＶ－３）隔膜、絶縁体、屋根用カバー及びシール、トンネル、廃棄場、池、廃棄場、壁
の屋根材料隔膜（ｗａｌｌｓ　ｒｏｏｆｉｎｇ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ）、ジオメンブレン
、スイミングプール、カーテン（シェード）／サンシールド、日除け、キャノピ、壁紙、
食品梱包及び包装（軟質及び固体）、医療梱包（軟質及び固体）、エアバッグ／安全ベル
ト、肘掛け及び頭支え、カーペット、中心コンソール、ダッシュボード、コックピット、
ドア、管理コンソールモジュール（ｏｖｅｒｈｅａｄ　ｃｏｎｓｏｌｅ　ｍｏｄｕｌｅ）
、ドアトリム、ヘッドライナ、車内灯、車内ミラー、手荷物棚、リアラッゲージカバー、
座席、ステアリングコラム、ステアリングホイール、織物、及びトランクトリム。
【００４６】
Ｖ）フィルム（梱包、廃棄、積層、農業及び園芸、温室、マルチ（ｍｕｌｃｈ）、トンネ
ル、貯蔵牧草）、ベールラップ、スイミングプール、ごみ袋、壁紙、ストレッチフィルム
、ラフィア（ｒａｆｆｉａ）、脱塩フィルム、バッテリー、及びコネクター。
【００４７】
ＶＩ－1）食品梱包及び包装（軟質及び固体）、瓶。

ＶＩ－２）箱（枠組箱）、ラッゲージ、チェスト、家庭用箱、パレット、棚、トラック、
ねじ切り、パック及び缶のような貯蔵システム。

ＶＩ－３）カートリッジ、シリンジ、医療用途、あらゆる輸送のためのコンテナ、ごみ入
れ（ｗａｓｔｅ　ｂａｓｋｅｔｓ）及びごみ入れ（ｗａｓｔｅ　ｂｉｎｓ）、ごみ袋、ご
み箱（ｂｉｎ）、ごみ箱（ｄｕｓｔ　ｂｉｎｓ）、ごみ袋（ｂｉｎ　ｌｉｎｅｒｓ）、車
輪付き大型ごみ入れ（ｗｈｅｅｌｙ　ｂｉｎｓ）、容器一般、水／使用済み水／化学／気
体／油／ガソリン／ディーゼル用タンク；タンクライナー、箱、枠組箱、バッテリーケー
ス、トラフ、ピストン、眼科用途、診断機器、及び医薬品ブリスタ用梱包のような医療機
器。
【００４８】
ＶＩＩ－１）押出被膜（写真用紙、テトラパック、配管塗装）、あらゆる種類の家庭用品
（例えば器具、魔法瓶／衣類ハンガー）、プラグ、ワイヤ及びケーブル固定金具のような
締付具、ジッパー、クロージャー（ｃｌｏｓｕｒｅｓ）、錠、及びスナップ－クロージャ
ー（ｓｎａｐ－ｃｌｏｓｕｒｅｓ）。

ＶＩＩ－２）補助装置、スポーツ及びフィットネス道具のような余暇時間のための製品、
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体操マット、スキーブーツ、インラインスケート、スキー、ビッグフット（ｂｉｇ　ｆｏ
ｏｔ）、運動競技表面材（例えば、テニス場）；スクリュー先端部、瓶の先端部及び栓、
及び缶。

ＶＩＩ－３）家具一般、発泡製品（クッション、衝撃吸収材）、気泡体、スポンジ、ふき
ん、マット、ガーデンチェア、競技場座席、テーブル、カウチ、玩具、建築キット（板／
フィギュア（ｆｉｇｕｒｅｓ）／ボール）、子供の家（ｐｌａｙｈｏｕｓｅ）、滑り台、
及び遊び乗り物。

ＶＩＩ－４）光学及び帯磁データ保管用物質。

ＶＩＩ－５）台所用品（食用、飲用、調理用、貯蔵用）。

ＶＩＩ－６）ＣＤ、カセット及びビデオテープ用箱；ＤＶＤ電子製品、あらゆる種類の事
務用品（ボールペン、スタンプ及びインクパッド、マウス、棚、トラック（ｔｒａｃｋｓ
））、あらゆる体積及び含量のボトル（飲物、洗浄剤、香水を含む化粧品）、及び接着テ
ープ。

ＶＩＩ－７）履き物（靴／靴底）、中敷、スパッツ、接着剤、構造用接着剤、食品箱（果
物、野菜、肉、魚）、合成紙、瓶用ラベル、カウチ、人工関節（ヒト）、印刷板（フレキ
ソ印刷）、印刷回路板、ディスプレイ技術。

ＶＩＩ－８）充てんポリマー（タルク、チョーク、チャイナクレー（カオリン）、ウォラ
ストナイト、顔料、カーボンブラック、ＴｉＯ2、マイカ、ナノ複合材料、ドロマイト、
シリケート、ガラス、アスベスト）の機器。
【００４９】
　このように、本発明の更なる態様は、上述したような組成物を含有する造形品、特にフ
ィルム、配管、形材、瓶、タンク又はコンテナ、繊維に関する。
　本発明の更なる態様は、上述したような組成物を含有する造形品に関する。成形は、特
に注入、吹込み、圧縮、回転成形又はスラッシュ成形又は押出により行われる。
　本発明は、また、少なくとも１つの式Ｉで表される化合物[成分（ｂ）]を有機物質に配
合することを含む有機物質の表面エネルギーを減少するための方法に関する。
　有機物質の表面エネルギーを減少する方法[例えば、撥油性及び撥水性を高めること]に
おける、式Ｉで表される又は成分（ｂ）の好ましい化合物の各々、及び所望による更なる
添加剤は、組成物に対し記載されたものと同じである。
　本発明の好ましい態様は、また有機物質のための表面エネルギー減少剤として[例えば
、撥油剤及び撥水剤として]の式（Ｉ）で表される化合物[成分（ｂ）]の使用である。
　有機物質の表面エネルギー減少剤としての使用[例えば、撥油性及び撥水性を高めるこ
と] における、式Ｉで表される又は成分（ｂ）の好ましい化合物の各々、及び所望による
更なる添加剤は、組成物に対し記載されたものと同じである。
【００５０】
　本発明は、さらに式Iで表される新規な化合物：
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【化１１】

[式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ないし２
５のアルキル基、炭素原子数１ないし２５のアコキシ基、炭素原子数７ないし９のフェニ
ルアルキル基、フェニル基
【化１２】

－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2又はＲ2とＲ3の各対は、結合する炭素原子と一緒
になって
【化１３】

を形成し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも２個の基は水素原子を表し；
及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6はフッ素原子含有基又は炭素原子数１ないし２５のアルキル基を表し；但し式Ｉで表
される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6はフッ素原子含有基を表す。）
を含有し；
Ｘは、

【化１４】

を表し；
Ｙは、直接結合、メチレン基、－ＣＨ（ＣＨ3）－又は－Ｃ（ＣＨ3）2－を表し；及び
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Ｒ7は、水素原子又は炭素原子数１ないし１８のアルキル基を表す。]であるが；但し、Ｒ

1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ5が水素原子を表す場合、Ｒ3は－Ｘ－Ｒ6を表し、Ｘは
【化１５】

（式中、カルボニル基はベンゼン環に結合する。）を表し、及びＲ6は－ＣＨ2ＣＨ2（Ｃ
Ｆ2）7ＣＦ3を表す式Ｉで表される化合物は除かれる化合物を提供する。
【００５１】
　特に興味深いのは、式Ｉで表される化合物であって、式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ

5は、互いに独立して水素原子、炭素原子数１ないし８のアルキル基、炭素原子数４ない
し１８のアコキシ基、フェニル基、－Ｘ－Ｒ6を表し、又は置換基Ｒ1とＲ2の対は、結合
する炭素原子と一緒になってベンゼン環を形成し；そして但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの
少なくとも２個の基は水素原子を表し；及び但し、Ｒ1ないしＲ5の群からの少なくとも１
個の基は水素原子を表さず；
Ｒ6は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基又は炭素原子数１ないし１８のアル
キル基を表し；但し、式Ｉで表される化合物は少なくとも１個の－Ｘ－Ｒ6基（式中、Ｒ6

は炭素原子数１ないし２５のフルオロアルキル基を表す。）を含有し；
Ｘは、
【化１６】

（式中、カルボニル基は芳香族環に結合する。）を表し；及び
Ｒ7は水素原子又は炭素原子数１ないし８のアルキル基を表すところの化合物である。
　式Ｉａで表される新規な化合物における一般的な記号の好ましい意味は、本発明の組成
物に関して設定された一般的な記号の好ましい意味と同じである。
【実施例】
【００５２】
　下記の実施例は本発明を更に説明する。部又はパーセンテージは質量に関係する。
実施例１：式１０１で表される化合物の調製。
【化１７】

　フッ素化アルコール（ゾニル　ＢＡ－Ｌ）３５．１ｇ（０．０８ｍｏｌ）及びトリエチ
ルアミン８ｇ（０．０８ｍｏｌ）を、トルエン１００ｍＬ中に溶解した。１，３，５－ベ
ンゼントリカルボニルトリクロリド７ｇ（0．０２６ｍｏｌ）をトルエン８０ｍＬ中に溶
解し、そして窒素雰囲気下５０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を５０℃
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で８時間攪拌し、続いて３時間還流した。室温まで冷却した後、沈殿物をろ過した。白色
生成物を温水で３回洗浄し、次に乾燥して融点７９ないし８１℃の式１０１で表される化
合物３２．４ｇ（８０．７％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００　ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）：
(＝８．７５（ｓ，３Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６７（ｍ，６Ｈ，ＣＨ2ＣＦ2），(＝２．８
２（ｍ，６Ｈ，ＣＨ2Ｏ）。
【００５３】
実施例２：式１０２で表される化合物の調製。
【化１８】

　フッ素化アルコール（ゾニル　ＢＡ－Ｌ）５ｇ（１１．３ｍｍｏｌ）及び乾燥トリエチ
ルアミン１．１ｇ（１１．３ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。１，３－フ
タロイルクロリド１．１６ｇ（５．７ｍｍｏｌ）をトルエン１０ｍＬ中に溶解し、そして
窒素雰囲気下２０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を２０℃で８時間攪拌
した。溶媒を蒸発させ、そして粗生成物を溶媒としてジクロロメタンを用いてカラムクロ
マトグラフィによって精製した。純留分を集め、そして溶媒を蒸留して、融点４１℃の式
１０２で表される化合物４．４ｇ（７３％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００　ＭＨｚ，
ＣＤＣｌ3）：(＝８．６８（ｓ，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝８．２８（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(
＝７．５９（ｍ，　１Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６７（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2ＣＦ2），(＝２．６
４（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2Ｏ）。
【００５４】
実施例３：式１０３で表される化合物の調製。

【化１９】

　フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）５ｇ（１１．３ｍｍｏｌ）及び乾燥トリエチル
アミン１．１ｇ（１１．３ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。フタロイルク
ロリド１．１６ｇ（５．７ｍｍｏｌ）をトルエン１０ｍＬ中に溶解し、そして窒素雰囲気
下２０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を２０℃で８時間攪拌した。溶媒
を蒸発させ、そして粗生成物を溶媒としてジクロロメタンを用いてカラムクロマトグラフ
ィによって精製した。純留分を集め、そして溶媒を留出して式１０３で表される化合物３
．３ｇ（５５％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００　ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）：(＝７．７２
（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．６１（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６２（ｍ，４Ｈ，Ｃ
Ｈ2ＣＦ2），(＝　２．５８（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2Ｏ）。
【００５５】
実施例４：式１０４で表される化合物の調製。
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【化２０】

フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）５ｇ（１１．３ｍｍｏｌ）及び乾燥トリエチルア
ミン１．１ｇ（１１．３ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。テレフタロイル
クロリド１．１６ｇ（５．７ｍｍｏｌ）をトルエン１０ｍＬ中に溶解し、そして窒素雰囲
気下２０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を２０℃で８時間攪拌した。溶
媒を蒸発し、そして粗生成物をエタノールから再結晶化によって精製して融点１１０℃の
式１０４で表される化合物３．８ｇ（６３％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００　ＭＨｚ
，ＣＤＣｌ3）：(＝８．１０（ｓ，４Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６２（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2ＣＦ

2），(＝２．５８（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2Ｏ）
【００５６】
実施例５：式１０５で表される化合物の調製。

【化２１】

　フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）２．４ｇ（５．５ｍｍｏｌ）及び乾燥トリエチ
ルアミン０．５ｇ（５．５ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。４－ビフェニ
ルカルボニルクロリド１．２ｇ（５．５ｍｍｏｌ）をトルエン１０ｍＬ中に溶解し、そし
て窒素雰囲気下２０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を２０℃で８時間攪
拌した。溶媒を蒸発させ、そして粗生成物をエタノールから再結晶化によって精製して融
点８３℃の式１０６で表される化合物１．８ｇ（５１％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４０
０　ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）：(＝８．１０（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．８３（ｍ，２Ｈ
，ＣＨ＝），(＝７．６５（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．４７（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(
＝７．４２（ｍ，　１Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６６（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2ＣＦ2），(＝２．６
３（ｍ，４Ｈ，　ＣＨ2Ｏ）。
【００５７】
実施例６：式１０６で表される化合物の調製。
【化２２】

　フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）１１．６ｇ（２６．２ｍｍｏｌ）及び乾燥トリ
エチルアミン２．６ｇ（２６．２ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。４－ビ
フェニルカルボニルクロリド５ｇ（２６．２ｍｍｏｌ）をトルエン１０ｍＬ中に溶解し、
そして窒素雰囲気下２０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を２０℃で８時
間攪拌した。溶媒を蒸発し、そして粗生成物を溶媒としてトルエンを用いてカラムクロマ
トグラフィによって精製した。純留分を集め、そして溶媒を留出して融点４９℃の式１０
７で表される化合物１２．３ｇ（７６％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００　ＭＨｚ，Ｃ
ＤＣｌ3）：(＝８．９６（ｍ，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝８．２３（ｍ，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝
８．０５（ｍ，　１Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．９０（ｍ，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．６４（ｍ
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，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．５６（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６６（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2

ＣＦ2），(＝２．６３（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2Ｏ）。
【００５８】
実施例７：式１０４、１０９及び１０７Ｂで表される化合物の混合物（化合物１０７）の
調製。
【化２３】

　フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）１７．８ｇ（４０．０ｍｍｏｌ）、１－オクタ
デカノール１０．８ｇ（４０．０ｍｍｏｌ）及びトリエチルアミン８．９０ｇ（８８．０
ｍｍｏｌ）を、トルエン２００ｍＬ中に溶解した。テレフタロイルクロリド１６．２ｇ（
８０ｍｍｏｌ）をトルエン５０ｍＬ中に溶解し、そして窒素雰囲気下５０℃で反応混合物
にゆっくり滴下した。反応混合物を１２時間還流下で加熱した。室温まで冷却した後、ジ
エチルエーテル（２００ｍＬ）を加え、そして有機相をｐＨ中性まで水で繰り返し洗浄し
た。有機相をＭｇＳＯ4上で乾燥し、ろ過し、そして減圧回転蒸発器を用いて濃縮して黄
色固体４５．５ｇを得た。粗固体をフラッシュクロマトグラフィ（ヘキサン／ジエチルエ
ーテル；１４：１）によって精製して、淡黄色固体、融点６８ないし７９℃の３成分混合
物（化合物１０７）１８．３ｇを得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（３００　ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）：
(＝８．１５－８．０５（ｍ，ＡｒＨ）；４．７５－４．６０（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2）
；４．４５－４．３０（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2）；２．７５－２．５５　（ｍ，ＯＣＨ2

ＣＨ2ＣＦ2）；１．８５－１．７０（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2）；　１．５５－１．１５
（ｍ，ＣＨ2）；０．９５－０．８０（ｍ，ＣＨ3）。
【００５９】
実施例８：式１０４、１０９及び１０７Ｂで表される化合物の混合物（化合物１０８）の
調製。
　フッ素化アルコール（ゾニル　ＢＡ－Ｌ）８．８７ｇ（２０．０ｍｍｏｌ）、１－オク
タデカノール１６．２ｇ（６０．０ｍｍｏｌ）及びトリエチルアミン８．９０ｇ（８８．
０ｍｍｏｌ）を、トルエン２００ｍＬ中に溶解した。テレフタロイルクロリド１６．２ｇ
（８０ｍｍｏｌ）をトルエン５０ｍＬ中に溶解し、そして窒素雰囲気下５０℃で反応混合
物にゆっくり滴下した。反応混合物を１２時間還流下で加熱した。室温まで冷却した後、
ジエチルエーテル（２００ｍＬ）を加え、そして有機相をｐＨ中性まで水で繰り返し洗浄
した。有機相をＭｇＳＯ4上で乾燥し、ろ過し、そして減圧回転蒸発器を用いて濃縮して
淡黄色固体３５．５ｇを得た。粗固体をフラッシュクロマトグラフィ（ヘキサン／ジエチ
ルエーテル；１４：１）によって精製して、白色固体、融点６３ないし８５℃の３成分混
合物（化合物１０８）１８．３ｇを得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（３００　ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）
：(＝８．２０－８．０５（ｍ，ＡｒＨ）；４．７５－４．６５（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2

）；４．４５－４．３０（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2）；２．７５－２．５５（ｍ，ＯＣＨ2

ＣＨ2ＣＦ2）；１．９０－１．７０（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2）；　１．５５－１．１５
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【００６０】
実施例９：式１０９で表される化合物の分離。
【化２４】

化合物１０９を、実施例８による粗生成物からフラッシュクロマトグラフィ（ヘキサン／
ジエチルエーテル；１０：１）によって純化合物として分離した。白色固体、融点７０な
いし７１℃。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）：(＝　８．１８－８．１０（
ｍ，ＡｒＨ，４Ｈ）；４．６８（ｔ，Ｊ＝６．４Ｈｚ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2,２Ｈ）；４．
３６（ｔ，Ｊ＝６．８Ｈｚ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2，　２Ｈ）；２．７５－２．５５（ｍ，
ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2，２Ｈ）；１．８５－１．７５（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2，２Ｈ）；１
．６０－１．２０（ｍ，ＣＨ2，３０Ｈ）；０．９０（ｔ，Ｊ＝６．８Ｈｚ，ＣＨ3，３Ｈ
）。
【００６１】
実施例１０：式１１０で表される化合物の調製。
【化２５】

５－（オクタデシルオキシ）イソフタル酸クロリド３．５６ｇ（７．５４ｍｍｏｌ）及び
トリエチルアミン１．５３ｇ（１５．１ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。
フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）６．３５ｇ（１４．３ｍｍｏｌ）を、窒素雰囲気
下室温で反応混合物にゆっくり加えた。反応混合物を室温で２時間攪拌した。室温まで冷
却した後、ジエチルエーテル（５０ｍＬ）を加え、そして有機相をｐＨ中性まで水で繰り
返し洗浄した。有機相をＮａ2ＳＯ4上で乾燥し、ろ過し、そして減圧回転蒸発器を用いて
濃縮して茶色固体９．５０ｇを得た。粗固体をヘキサン中での再結晶化によって精製して
、黄色固体、融点７０ないし１３６℃の式１１０で表される化合物６．２０ｇ（６５％）
を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（３００　ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）：(＝８．２６－８．２２（ｍ，
ＡｒＨ，１Ｈ）；７．８０－７．７５（ｍ，ＡｒＨ，２Ｈ）；４．６７（ｔ，Ｊ＝６．６
Ｈｚ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2，４Ｈ）；４．０５（ｔ，Ｊ＝６．６Ｈｚ，ＡｒＯＣＨ2，２Ｈ
）；２．７５－２．５５（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2，４Ｈ）；１．９０－１．７５（ｍ，
ＡｒＯＣＨ2ＣＨ2，２Ｈ）；１．６０－１．２０（ｍ，ＣＨ2，　３０Ｈ）；０．９０（
ｔ，Ｊ＝６．６Ｈｚ，ＣＨ3，３Ｈ）。
【００６２】
実施例１１：式１１１で表される化合物の調製。
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テトラメチルピロメリテート１．６３ｇ（５．１１ｍｍｏｌ）、フッ素化アルコール（ゾ
ニルＢＡ－Ｌ）９．０６ｇ（２０．４ｍｍｏｌ）及びジ－Ｎ－ブチルチンオキシド（ｄｉ
－Ｎ－ｂｕｔｙｌｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）５３ｍｇを、２４時間１６０℃まで加熱した。室
温まで冷却した後、固体残留物をアセトンで洗浄し、そして減圧下で乾燥してトリス－及
びビス－エステル交換化合物で汚染されている茶色固体、融点７０ないし８４℃の式１１
１で表される化合物７．７０ｇを得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００　ＭＨｚ，ＴＦＡ）：(＝
８．４０－８．２０（ｍ，ＡｒＨ）；　４．９５－４．７５（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2）
；４．１６（ｓ，ＯＣＨ3）；２．８５－２．６５（ｍ，ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＦ2）。
【００６３】
実施例１２：ポリプロピレンにおける撥水性及び撥油性。
　式Ｉで表される化合物の忌避性質を測定するために、それらを下記の手順に従い試験し
た。試料調製は、ポリプロピレン不織布と添加剤との組み合わせ、及び表面への添加剤の
移動及び化学基の適切な表面再配置を可能にする熱処理（例えば１０分間１３０℃）であ
る。この追加の熱サイクルは、基材表面上で均一な再分布を得るために式Iで表される化
合物を融解するために必要とされた。ポリプロピレン不織布、織物質量：４０ｇ／ｍ2の
工業用試料を、１分間超音波エネルギーを同時に適用しながら、試験化合物の１％イソプ
ロパノール溶液に浸漬した。その後、試料を室温で一晩乾燥し、次にオーブンにおいて９
０℃で２時間乾燥した。その後試料の一部を１３０℃で１０分間アニールした。
　処理した不織布試料を、ＩＮＤＡ試験法８０．８（９９）に類似の撥水性試験で評価し
た。不織布のぬれ挙動を一連の水／イソプロパノール混合物で試験した。ぬれ挙動の観察
結果を、０（可湿、非撥水性）ないし１０（最適な撥水性）で評価した。結果を表１に纏
めた。
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【表１】

処理した不織布試料を、ＡＡＴＣＣ試験法１１８－１９９７／ＩＳＯ１４４１９に類似の
油撥性試験で評価した。この試験は、撥水性試験方法に対し既に述べられたものと同じ概
念に従うが、試験溶媒として一連の炭化水素を使用した。ぬれ挙動の観察結果を、０（非
撥油性）ないし８（最適な撥油性）で評価した。結果を表２に纏めた。
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【表２】

【００６４】
　実施例１３：ポリプロピレン不織布繊維における撥水性及び撥油性。
　式Ｉで表される化合物を、室温でポリプロピレン粉末又はペレットと混合し、そして二
軸スクリュー押出し機によって押出した。溶融ポリマー及び添加剤を丸ダイスを通して出
し、そして冷水おけですぐに冷却及び固化した。固化ストランドをペレタイザーに供給し
た。メルトブローン処理のために使用されたポリプロピレンは、ボレアリス社製ＨＬ５０
８ＦＢ（溶融流量８００ｇ／１０分）である。もう１つの方法として、式Ｉで表される化
合物は、当業者によってマスターバッチに作られた。望ましい量のマスターバッチを、次
にスパンボンド及びメルトブローン不織布を作るために適したポリプロピレンと混合した
。
　濃縮ペレットを追加のポリプロピレンペレットとともに落とし、そしてミキサーで混合
し、質量に基づく望ましい添加剤濃縮物を生じた（タンブル混合）。
　メルトブローン方法：メルトブローンポリプロピレン繊維を、以下の条件下で、特注の
６インチメルトブローイングパイロットラインを使用して調製した：押出温度１７５ない
し２６５℃；ダイ温度それぞれ２４０及び２７０℃；処理量４．４ｋｇ／ｈ；及び回転ド
ラム速度を特定の基本質量を有する不織布を製造するために調整した。織物質量をｇｍ-2

（1平方メートル当たりのグラム）で測定した。
　不織布試料を、ＩＮＤＡ試験方法８０．８（９９）に類似の撥水性／撥アルコール性試
験において評価した。不織布のぬれ挙動を、一連の水／イソプロパノール混合物で試験し
た。ぬれ挙動の観測を、０（湿潤、非撥水性）ないし１０（最適な撥水性）で評価した。
結果を表2に纏めた。
　処理した試料を、ＡＡＴＣＣ試験方法１１８－１９９７／ＩＳＯ　１４４１９に類似の
撥油性試験において評価した。この試験は、試験溶媒として、一連の炭化水素を使用する
こと以外は既に述べた撥水性試験方法の同じ概念に従った。ぬれ挙動の観測を、０（非撥
油性）ないし１０（最適な撥油性）で評価した。結果を表３に纏めた。
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【表３】
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【表４】

【００６５】
実施例１４：連続ポリプロピレン繊維における撥水性及び撥油性。
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配合：式Ｉで表される化合物の配合を、実施例１３に記載されるように調整した。繊維ス
ピン処理のために使用されたポリプロピレンはバセル社製モプレン（Ｍｏｐｌｅｎ）ＨＰ
５５２Ｒであった。

　繊維スピン処理：連続ポリプロピレンマルチフィラメント繊維を、下記の条件下で繊維
スピンラインを使用して調製した：押出機温度１７５ないし２４０℃、ダイ温度２８０℃
、４０フィラメント。スピンポンプ速度を、２デニールの特定の質量を有する繊維を製造
するために調整した。繊維を次に靴下に編んだ。

　編んだＰＰ試料を、実施例１３で記載されるように、それぞれ撥水性／撥アルコール性
及び撥油性で評価した。結果を表４及び表５に纏めた。
【表５】

【表６】

                                                                        
【手続補正書】
【提出日】平成19年4月27日(2007.4.27)
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
実施例５：式１０５で表される化合物の調製。
【化１】

　フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）２．４ｇ（５．５ｍｍｏｌ）及び乾燥トリエチ
ルアミン０．５ｇ（５．５ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。４－ビフェニ
ルカルボニルクロリド１．２ｇ（５．５ｍｍｏｌ）をトルエン１０ｍＬ中に溶解し、そし
て窒素雰囲気下２０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を２０℃で８時間攪
拌した。溶媒を蒸発させ、そして粗生成物をエタノールから再結晶化によって精製して融
点８３℃の式１０５で表される化合物１．８ｇ（５１％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４０
０　ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）：(＝８．１０（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．８３（ｍ，２Ｈ
，ＣＨ＝），(＝７．６５（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．４７（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(
＝７．４２（ｍ，　１Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６６（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2ＣＦ2），(＝２．６
３（ｍ，４Ｈ，　ＣＨ2Ｏ）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
実施例６：式１０６で表される化合物の調製。

【化２】

                      (106)
　フッ素化アルコール（ゾニルＢＡ－Ｌ）１１．６ｇ（２６．２ｍｍｏｌ）及び乾燥トリ
エチルアミン２．６ｇ（２６．２ｍｍｏｌ）を、トルエン２０ｍＬ中に溶解した。４－ビ
フェニルカルボニルクロリド５ｇ（２６．２ｍｍｏｌ）をトルエン１０ｍＬ中に溶解し、
そして窒素雰囲気下２０℃で反応混合物にゆっくり滴下した。反応混合物を２０℃で８時
間攪拌した。溶媒を蒸発し、そして粗生成物を溶媒としてトルエンを用いてカラムクロマ
トグラフィによって精製した。純留分を集め、そして溶媒を留出して融点４９℃の式１０
６で表される化合物１２．３ｇ（７６％）を得た。1Ｈ　ＮＭＲ：（４００　ＭＨｚ，Ｃ
ＤＣｌ3）：(＝８．９６（ｍ，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝８．２３（ｍ，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝
８．０５（ｍ，　１Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．９０（ｍ，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．６４（ｍ
，１Ｈ，ＣＨ＝），(＝７．５６（ｍ，２Ｈ，ＣＨ＝），(＝４．６６（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2

ＣＦ2），(＝２．６３（ｍ，４Ｈ，ＣＨ2Ｏ）。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　実施例１３：ポリプロピレン不織布繊維における撥水性及び撥油性。
　式Ｉで表される化合物を、室温でポリプロピレン粉末又はペレットと混合し、そして二
軸スクリュー押出し機によって押出した。溶融ポリマー及び添加剤を丸ダイスを通して出
し、そして冷水おけですぐに冷却及び固化した。固化ストランドをペレタイザーに供給し
た。メルトブローン処理のために使用されたポリプロピレンは、ボレアリス社製ＨＬ５０
８ＦＢ（溶融流量８００ｇ／１０分）である。もう１つの方法として、式Ｉで表される化
合物は、当業者によってマスターバッチに作られた。望ましい量のマスターバッチを、次
にスパンボンド及びメルトブローン不織布を作るために適したポリプロピレンと混合した
。
　濃縮ペレットを追加のポリプロピレンペレットとともに落とし、そしてミキサーで混合
し、質量に基づく望ましい添加剤濃縮物を生じた（タンブル混合）。
　メルトブローン方法：メルトブローンポリプロピレン繊維を、以下の条件下で、特注の
６インチメルトブローイングパイロットラインを使用して調製した：押出温度１７５ない
し２６５℃；ダイ温度それぞれ２４０及び２７０℃；処理量４．４ｋｇ／ｈ；及び回転ド
ラム速度を特定の基本質量を有する不織布を製造するために調整した。織物質量をｇｍ-2

（1平方メートル当たりのグラム）で測定した。
　不織布試料を、ＩＮＤＡ試験方法８０．８（９９）に類似の撥水性／撥アルコール性試
験において評価した。不織布のぬれ挙動を、一連の水／イソプロパノール混合物で試験し
た。ぬれ挙動の観測を、０（湿潤、非撥水性）ないし１０（最適な撥水性）で評価した。
結果を表３に纏めた。
　処理した試料を、ＡＡＴＣＣ試験方法１１８－１９９７／ＩＳＯ　１４４１９に類似の
撥油性試験において評価した。この試験は、試験溶媒として、一連の炭化水素を使用する
こと以外は既に述べた撥水性試験方法の同じ概念に従った。ぬれ挙動の観測を、０（非撥
油性）ないし１０（最適な撥油性）で評価した。結果を表４に纏めた。
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【表２】

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
実施例１４：連続ポリプロピレン繊維における撥水性及び撥油性。
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配合：式Ｉで表される化合物の配合を、実施例１３に記載されるように調整した。繊維ス
ピン処理のために使用されたポリプロピレンはバセル社製モプレン（Ｍｏｐｌｅｎ）ＨＰ
５５２Ｒであった。

　繊維スピン処理：連続ポリプロピレンマルチフィラメント繊維を、下記の条件下で繊維
スピンラインを使用して調製した：押出機温度１７５ないし２４０℃、ダイ温度２８０℃
、４０フィラメント。スピンポンプ速度を、２デニールの特定の質量を有する繊維を製造
するために調整した。繊維を次に靴下に編んだ。

　編んだＰＰ試料を、実施例１３で記載されるように、それぞれ撥水性／撥アルコール性
及び撥油性で評価した。結果を表５及び表６に纏めた。
【表３】

【表４】
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